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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】成膜性に優れた光学フィルム製造用の組成物及び該組成物から形成される光学フ
ィルムの提供。
【解決手段】以下の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を含む組成物、及び該組成物から形成され
る光学フィルム。（Ａ）式（Ａ）で表される化合物

［式中、Ｙ１は芳香族複素環式基などを表す。Ｄ１及びＤ２は、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－など
を表す。Ｇ１及びＧ２は脂環式炭化水素基などを表す。Ｌ１及びＬ２のうち少なくとも一
方が、重合性基を有する有機基である。］（Ｂ）メルカプト基を有する化合物。（Ｃ）光
重合開始剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を含む組成物。
　（Ａ）式（Ａ）で表される化合物

［式（Ａ）中、
　Ｘ１は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＲ１－を表す。Ｒ１は、水素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
　Ｙ１は、置換基を有していてもよい炭素数６～１２の１価の芳香族炭化水素基、又は置
換基を有していてもよい炭素数３～１２の１価の芳香族複素環式基を表す。
　Ｑ３及びＱ４は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数１～２
０の１価の脂肪族炭化水素基、炭素数３～２０の脂環式炭化水素基、置換基を有していて
もよい炭素数６～２０の１価の芳香族炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
－ＮＲ２Ｒ３又は－ＳＲ２を表すか、Ｑ３及びＱ４が互いに結合して、これらがそれぞれ
結合する炭素原子とともに芳香環又は芳香族複素環を形成していてもよい。Ｒ２及びＲ３

は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を表す。
　Ｄ１及びＤ２は、それぞれ独立に、単結合、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｓ）－Ｏ－
、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＲ６Ｒ７－、－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－
Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ
５－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－又は－ＮＲ４－Ｃ
Ｒ５Ｒ６－又は－ＣＯ－ＮＲ４－を表す。
　Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
　Ｇ１及びＧ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基を表し、該
脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っ
ていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成するメチン基は、第三級窒素原子に置き換って
いてもよい。
　Ｌ１及びＬ２は、それぞれ独立に、１価の有機基を表し、Ｌ１及びＬ２のうち少なくと
も一方が、重合性基を有する有機基である。］
　（Ｂ）メルカプト基を有する化合物
　（Ｃ）光重合開始剤
【請求項２】
　前記（Ｂ）が、２個以上のメルカプト基を分子内に有する化合物である請求項１記載の
組成物。
【請求項３】
　前記（Ａ）は、
　前記式（Ａ）のＬ１が式（Ａ１）で表される基であり、かつＬ２が式（Ａ２）で表され
る基の化合物である請求項１又は２記載の組成物。

　Ｐ１－Ｆ１－（Ｂ１－Ａ１）ｋ－Ｅ１－　　　　　（Ａ１）
　Ｐ２－Ｆ２－（Ｂ２－Ａ２）ｌ－Ｅ２－　　　　　（Ａ２）

［式（Ａ１）及び式（Ａ２）中、
　Ｂ１、Ｂ２、Ｅ１及びＥ２は、それぞれ独立に、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＨ２－ＣＨ２－



(3) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

50

、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＳ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＳ－Ｏ－
、－ＣＯ－ＮＲ1－、－Ｏ－ＣＨ２－、－Ｓ－ＣＨ２－又は単結合を表す。
　Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基又は炭素数
６～１８の２価の芳香族炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は
、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成
するメチン基は、第三級窒素原子に置き換っていてもよい。
　ｋ及びｌは、それぞれ独立に、０～３の整数を表す。ｋが２以上の整数である場合、複
数のＢ１は互いに同一であっても異なっていてもよく、複数のＡ１は互いに同一であって
も異なっていてもよい。ｌが２以上の整数である場合、複数のＢ２は互いに同一であって
も異なっていてもよく、複数のＡ２は互いに同一であっても異なっていてもよい。
　Ｆ１及びＦ２は、炭素数１～１２の２価の脂肪族炭化水素基を表す。
　Ｐ１は、重合性基を表す。
　Ｐ２は、水素原子又は重合性基を表す。
　Ｒ４及びＲ５は、前記と同じ意味を表す。］
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか記載の組成物に含まれる重合性成分を重合して形成される光学
フィルム。
【請求項５】
　位相差性を有する請求項４記載の光学フィルム。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の光学フィルムを含む偏光板。
【請求項７】
　請求項４又は５記載の光学フィルムを備えたフラットパネル表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、組成物及び光学フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　フラットパネル表示装置（ＦＰＤ）には、偏光板及び位相差板等の光学フィルムを含む
部材が用いられている。このような光学フィルムとして、重合性液晶化合物、光重合開始
剤及び溶剤を含む組成物を基材上に塗布することにより製造されたものが知られている。
例えば、特許文献１には、式（ix-1）で表される重合性液晶化合物、光重合開始剤及び溶
剤を含む組成物から形成された光学フィルムが記載されている。

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－３１２２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記特許文献１記載の組成物では、基材上に塗布する際に、その塗布条件によっては、
塗布膜中で部分的に重合性液晶化合物の結晶化が生じる場合があった。そのため、該組成
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物は成膜性の点では改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は以下の発明を含む。
〔１〕以下の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を含む組成物。
　（Ａ）式（Ａ）で表される化合物

［式（Ａ）中、
　Ｘ１は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＲ１－を表す。Ｒ１は、水素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
　Ｙ１は、置換基を有していてもよい炭素数６～１２の１価の芳香族炭化水素基、又は置
換基を有していてもよい炭素数３～１２の１価の芳香族複素環式基を表す。
　Ｑ３及びＱ４は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数１～２
０の１価の脂肪族炭化水素基、炭素数３～２０の脂環式炭化水素基、置換基を有していて
もよい炭素数６～２０の１価の芳香族炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
－ＮＲ２Ｒ３又は－ＳＲ２を表すか、Ｑ３及びＱ４が互いに結合して、これらがそれぞれ
結合する炭素原子とともに芳香環又は芳香族複素環を形成していてもよい。Ｒ２及びＲ３

は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を表す。
　Ｄ１及びＤ２は、それぞれ独立に、単結合、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｓ）－Ｏ－
、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＲ６Ｒ７－、－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－
Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ
５－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－又は－ＮＲ４－Ｃ
Ｒ５Ｒ６－又は－ＣＯ－ＮＲ４－を表す。
　Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
　Ｇ１及びＧ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基を表し、該
脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っ
ていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成するメチン基は、第三級窒素原子に置き換って
いてもよい。
　Ｌ１及びＬ２は、それぞれ独立に、１価の有機基を表し、Ｌ１及びＬ２のうち少なくと
も一方が、重合性基を有する有機基である。］
　（Ｂ）メルカプト基を有する化合物
　（Ｃ）光重合開始剤
〔２〕前記（Ｂ）が、２個以上のメルカプト基を分子内に有する化合物である前記〔１〕
記載の組成物。
〔３〕前記（Ａ）は、
　前記式（Ａ）のＬ１が式（Ａ１）で表される基であり、かつＬ２が式（Ａ２）で表され
る基の化合物である前記〔１〕又は〔２〕記載の組成物。

　Ｐ１－Ｆ１－（Ｂ１－Ａ１）ｋ－Ｅ１－　　　　　（Ａ１）
　Ｐ２－Ｆ２－（Ｂ２－Ａ２）ｌ－Ｅ２－　　　　　（Ａ２）

［式（Ａ１）及び式（Ａ２）中、
　Ｂ１、Ｂ２、Ｅ１及びＥ２は、それぞれ独立に、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＨ２－ＣＨ２－
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、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＳ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＳ－Ｏ－
、－ＣＯ－ＮＲ1－、－Ｏ－ＣＨ２－、－Ｓ－ＣＨ２－又は単結合を表す。
　Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基又は炭素数
６～１８の２価の芳香族炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は
、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成
するメチン基は、第三級窒素原子に置き換っていてもよい。
　ｋ及びｌは、それぞれ独立に、０～３の整数を表す。ｋが２以上の整数である場合、複
数のＢ１は互いに同一であっても異なっていてもよく、複数のＡ１は互いに同一であって
も異なっていてもよい。ｌが２以上の整数である場合、複数のＢ２は互いに同一であって
も異なっていてもよく、複数のＡ２は互いに同一であっても異なっていてもよい。
　Ｆ１及びＦ２は、炭素数１～１２の２価の脂肪族炭化水素基を表す。
　Ｐ１は、重合性基を表す。
　Ｐ２は、水素原子又は重合性基を表す。
　Ｒ４及びＲ５は、前記と同じ意味を表す。］
〔４〕前記〔１〕～〔３〕のいずれか記載の組成物に含まれる重合性成分を重合して形成
される光学フィルム。
〔５〕位相差性を有する前記〔４〕記載の光学フィルム。
〔６〕前記〔４〕又は〔５〕記載の光学フィルムを含む偏光板。
〔７〕前記〔４〕又は〔５〕記載の光学フィルムを備えたフラットパネル表示装置。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、成膜性に優れた光学フィルム製造用の組成物及び該組成物から形成さ
れる光学フィルムが提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明に係る偏光板の一例を示す断面模式図である。
【図２】本発明に係る液晶表示装置の一例を示す断面模式図である。
【図３】本発明に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
１．組成物（以下、本発明の組成物を場合により、「本組成物」という）
　本組成物は、式（Ａ）で表される化合物（以下、場合により「化合物（Ａ）」という）
、（Ｂ）チオール基を有する化合物及び（Ｃ）光重合開始剤を含む。本発明は、本組成物
、本組成物を用いて形成される光学フィルム等を提供するものであり、以下、必要に応じ
て図面を参照しながら、本発明を詳細に説明する。なお、図面中の寸法等は見易さのため
に任意になっている。
【０００９】
１－１．化合物
　本発明の組成物は、式（Ａ）で表される化合物（Ａ）を含む。繰り返しになるが、式（
Ａ）を以下に示す。

［式（Ａ）中、
　Ｘ１は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＲ１－を表す。Ｒ１は、水素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
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　Ｙ１は、置換基を有していてもよい炭素数６～１２の１価の芳香族炭化水素基、又は置
換基を有していてもよい炭素数３～１２の１価の芳香族複素環式基を表す。
　Ｑ３及びＱ４は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数１～２
０の１価の脂肪族炭化水素基、炭素数３～２０の脂環式炭化水素基、置換基を有していて
もよい炭素数６～２０の１価の芳香族炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、
－ＮＲ２Ｒ３又は－ＳＲ２を表すか、Ｑ３及びＱ４が互いに結合して、これらがそれぞれ
結合する炭素原子とともに芳香環又は芳香族複素環を形成していてもよい。Ｒ２及びＲ３

は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を表す。
　Ｄ１及びＤ２は、それぞれ独立に、単結合、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｃ（＝Ｓ）－Ｏ－
、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＲ６Ｒ７－、－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ５－
Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ４Ｒ５－、－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＲ４Ｒ
５－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ６Ｒ７－、－ＣＲ４Ｒ５－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ６Ｒ７－又は－ＮＲ４－Ｃ
Ｒ５Ｒ６－又は－ＣＯ－ＮＲ４－を表す。
　Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は、それぞれ独立に、水素原子、フッ素原子又は炭素数１～
４のアルキル基を表す。
　Ｇ１及びＧ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基を表し、該
脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っ
ていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成するメチン基は、第三級窒素原子に置き換って
いてもよい。
　Ｌ１及びＬ２は、それぞれ独立に、１価の有機基を表し、Ｌ１及びＬ２のうち少なくと
も一方が、重合性基を有する有機基である。］
【００１０】
　Ｒ1で表される炭素数１～４のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、ブチル基及びｓｅｃ－ブチル基等が挙げられる。これらの中でも、炭
素数１～３のアルキル基が好ましく、メチル基及びエチル基がより好ましく、メチル基が
特に好ましい。
【００１１】
　Ｙ1で表される芳香族炭化水素基としては、フェニル基等の単環系芳香族炭化水素基；
ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基及びビフェニル基等の多環系芳香族炭化水
素基（縮合多環系芳香族炭化水素基を含む）が挙げられる。これらの中でも、Ｙ1で表さ
れる芳香族炭化水素基としては、フェニル基及びナフチル基が好ましく、フェニル基がよ
り好ましい。
　Ｙ1で表される芳香族複素環式基としては、フリル基、ピロリル基、チエニル基、ピリ
ジニル基及びチアゾリル基等の単環系芳香族複素環基；ベンゾチアゾリル基、ベンゾフリ
ル基及びベンゾチエニル基等の多環系芳香族複素環基（縮合多環系芳香族複素環基を含む
）等の、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子等のヘテロ原子を少なくとも一つ含む芳香族複
素環式基が挙げられる。これらの中でもフリル基、チエニル基、チアゾリル基、ベンゾチ
アゾリル基、ベンゾフリル基及びベンゾチエニル基が好ましい。
【００１２】
　Ｙ1で表される芳香族炭化水素基及び芳香族複素環式基は置換基（以下、場合により「
置換基Ｚ1」という）を有していてもよい。置換基Ｚ1としては、ハロゲン原子、炭素数１
～６のアルキル基、シアノ基、ニトロ基、ニトロソ基、カルボキシ基、炭素数１～６のア
ルキルスルフィニル基、炭素数１～６のアルキルスルホニル基、炭素数１～６のフルオロ
アルキル基、炭素数１～６のアルコキシ基、炭素数１～６のアルキルスルファニル基、炭
素数１～６のＮ－アルキルアミノ基、炭素数２～１２のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、炭
素数１～６のＮ－アルキルスルファモイル基、及び炭素数２～１２のＮ，Ｎ－ジアルキル
スルファモイル基等が挙げられる。
【００１３】
　置換基Ｚ1のうち、前記ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及び
ヨウ素原子のいずれでもよいが、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子が好ましい。
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　置換基Ｚ1のうち、前記アルキル基の具体例は、前記Ｒ1のアルキル基として例示したも
のと同じものが挙げられる。これらの中でも、メチル基及びエチル基がより好ましく、メ
チル基が特に好ましい。
【００１４】
　置換基Ｚ1のうち、前記アルキルスルフィニル基としては、メチルスルフィニル基、エ
チルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、ブチルス
ルフィニル基、イソブチルスルフィニル基、ｓｅｃ－ブチルスルフィニル基、ｔｅｒｔ－
ブチルスルフィニル基、ペンチルスルフィニル基及びヘキシルスルフィニル基等が挙げら
れる。これらの中でも炭素数１～４のアルキルスルフィニル基が好ましく、炭素数１～２
のアルキルスルフィニル基がより好ましく、メチルスルフィニル基が特に好ましい。
【００１５】
　置換基Ｚ1のうち、前記アルキルスルホニル基としては、メチルスルホニル基、エチル
スルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基
、イソブチルスルホニル基、ｓｅｃ－ブチルスルホニル基、ｔｅｒｔ－ブチルスルホニル
基、ペンチルスルホニル基及びヘキシルスルホニル基等が挙げられる。これらの中でも炭
素数１～４のアルキルスルホニル基が好ましく、炭素数１～２のアルキルスルホニル基が
より好ましく、メチルスルホニル基が特に好ましい。
【００１６】
　置換基Ｚ1のうち、前記フルオロアルキル基としては、フルオロメチル基、トリフルオ
ロメチル基、フルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基及
びノナフルオロブチル基等が挙げられる。これらの中でも炭素数１～４のフルオロアルキ
ル基が好ましく、炭素数１～２のフルオロアルキル基がより好ましく、トリフルオロメチ
ル基が特に好ましい。
【００１７】
　置換基Ｚ1のうち、前記アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ
基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、ｓｅｃ－ブトキシ基、ｔｅｒｔ－
ブトキシ基、ペンチルオキシ基及びヘキシルオキシ基等が挙げられる。これらの中でも炭
素数１～４のアルコキシ基が好ましく、炭素数１～２のアルコキシ基がより好ましく、メ
トキシ基が特に好ましい。
【００１８】
　置換基Ｚ1のうち、前記アルキルスルファニル基としては、メチルスルファニル基、エ
チルスルファニル基、プロピルスルファニル基、イソプロピルスルファニル基、ブチルス
ルファニル基、イソブチルスルファニル基、ｓｅｃ－ブチルスルファニル基、ｔｅｒｔ－
ブチルスルファニル基、ペンチルスルファニル基及びヘキシルスルファニル基等が挙げら
れる。これらの中でも炭素数１～４のアルキルスルファニル基が好ましく、炭素数１～２
のアルキルスルファニル基がより好ましく、メチルスルファニル基が特に好ましい。
【００１９】
　置換基Ｚ1のうち、前記Ｎ－アルキルアミノ基としては、Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ－エ
チルアミノ基、Ｎ－プロピルアミノ基、Ｎ－イソプロピルアミノ基、Ｎ－ブチルアミノ基
、Ｎ－イソブチルアミノ基、Ｎ－ｓｅｃ－ブチルアミノ基、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアミノ
基、Ｎ－ペンチルアミノ基及びＮ－ヘキシルアミノ基等が挙げられる。これらの中でも炭
素数１～４のＮ－アルキルアミノ基が好ましく、炭素数１～２のＮ－アルキルアミノ基が
より好ましく、Ｎ－メチルアミノ基が特に好ましい。
【００２０】
　置換基Ｚ1のうち、前記Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ基としては、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミ
ノ基、Ｎ－メチル－Ｎ－エチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジプロピ
ルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジブチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジ
イソブチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジペンチルアミノ基及びＮ，Ｎ－ジヘキシルアミノ基等が
挙げられる。これらの中でも炭素数２～８のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基が好ましく、炭
素数２～４のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基がより好ましく、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ基が
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特に好ましい。
【００２１】
　置換基Ｚ1のうち、前記Ｎ－アルキルスルファモイル基としては、Ｎ－メチルスルファ
モイル基、Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ－プロピルスルファモイル基、Ｎ－イソプロ
ピルスルファモイル基、Ｎ－ブチルスルファモイル基、Ｎ－イソブチルスルファモイル基
、Ｎ－ｓｅｃ－ブチルスルファモイル基、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルスルファモイル基、Ｎ－
ペンチルスルファモイル基及びＮ－ヘキシルスルファモイル基等が挙げられる。これらの
中でも炭素数１～４のＮ－アルキルスルファモイル基が好ましく、炭素数１～２のＮ－ア
ルキルスルファモイル基がより好ましく、Ｎ－メチルスルファモイル基が特に好ましい。
【００２２】
　置換基Ｚ1のうち、前記Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基としては、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルスルファモイル基、Ｎ－メチル－Ｎ－エチルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジエチルス
ルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルスルフ
ァモイル基、Ｎ，Ｎ－ジブチルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジイソブチルスルファモイル
基、Ｎ，Ｎ－ジペンチルスルファモイル基及びＮ，Ｎ－ジヘキシルスルファモイル基等が
挙げられる。これらの中でも炭素数２～８のＮ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基が好ま
しく、炭素数２～４のＮ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基がより好ましく、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルスルファモイル基が特に好ましい。
【００２３】
　以上、置換基Ｚ1を、その具体例及び好適例を挙げたが、これらの中でも、置換基Ｚ1は
、ハロゲン原子、炭素数１～２のアルキル基、シアノ基、ニトロ基、炭素数１～２のアル
キルスルホニル基、炭素数１～２のフルオロアルキル基、炭素数１～２のアルコキシ基、
炭素数１～２のアルキルスルファニル基、炭素数１～２のＮ－アルキルアミノ基、炭素数
２～４のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ基及び炭素数１～２のアルキルスルファモイル基が好
ましく、ハロゲン原子、メチル基、シアノ基、ニトロ基、スルホ基、カルボキシ基、トリ
フルオロメチル基、メトキシ基、メチルスルファニル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ基及び
Ｎ－メチルアミノ基が特に好ましい。
【００２４】
　Ｙ1が、置換基を有していてもよい単環系芳香族炭化水素基又は置換基を有していても
よい単環系芳香族複素環基である場合、その好適例は、式（Ｙ－１）～式（Ｙ－６）でそ
れぞれ表される基が挙げられる。
【００２５】

　［式（Ｙ－１）～式（Ｙ－６）中、
　＊は結合手を表し、Ｚ1は前記置換基Ｚ1を表す。
　ａ１は０～５の整数、ａ２は０～４の整数、ｂ１は０～３の整数、ｂ２は０～２の整数
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　なお、ａ１、ａ２、ｂ１及びｂ２が２以上の整数である場合、同一基に存在する複数の
Ｚ1は互いに同一であっても異なっていてもよい。］
【００２６】
　これらの中でも、Ｙ1は、式（Ｙ－１）又は式（Ｙ－３）で表される基であると、化合
物（Ａ）が容易に製造できる点やコストの点で特に好ましい。
【００２７】
　Ｙ1が、置換基を有していてもよい多環系芳香族炭化水素基又は置換基を有していても
よい多環系芳香族複素環基である場合、その好適例は、式（Ｙ1－１）～式（Ｙ1－７）で
それぞれ表される基が挙げられる。
【００２８】

　［式（Ｙ1－１）～式（Ｙ1－７）中、
　＊は結合手を表し、Ｚ1は前記置換基Ｚ1を表す。
　Ｖ1及びＶ2は、それぞれ独立に、－ＣＯ－、－Ｓ－、－ＮＲ9－、－Ｏ－、－Ｓｅ－又
は－ＳＯ2－を表す。Ｒ9は、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基を表す。
　Ｗ1～Ｗ5は、それぞれ独立に、－ＣＨ＝又は－Ｎ＝を表す。
　ただし、Ｖ1、Ｖ2及びＷ1～Ｗ5のうち少なくとも１つは、Ｓ、Ｎ、Ｏ又はＳｅといった
ヘテロ原子又は該へテロ原子を含む基を表す。
　ａは、０～３の整数を表す。
　ｂは、０～２の整数を表す。
　なお、ａ、ｂが２以上の整数である場合、同一基に存在する複数のＺ1は互いに同一で
あっても異なっていてもよい。］
【００２９】
　Ｖ1及びＶ2は、それぞれ独立に、－Ｓ－、－ＮＲ9－又は－Ｏ－が好ましく、Ｗ1～Ｗ5

は、それぞれ独立に、－ＣＨ＝又は－Ｎ＝が好ましい。
　ａは０又は１であることが好ましく、ｂは０であることが好ましい。
【００３０】
　さらに、Ｙ1が、置換基を有していてもよい多環系芳香族炭化水素基又は置換基を有し
ていてもよい多環系芳香族複素環基である場合でいえば、式（Ｙ2－１）～式（Ｙ2－６）
で表される基であることがより好ましい。
【００３１】
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　［式（Ｙ2－１）～式（Ｙ2－６）中、
　＊、Ｚ1、ａ、ｂ、Ｖ1、Ｖ2及びＷ1は、前記と同じ意味を表す。］
【００３２】
　式（Ｙ2－１）～式（Ｙ2－６）でそれぞれ表される基においては、Ｚ1としては、ハロ
ゲン原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ｓｅｃ－ブチル基、シアノ基、ニトロ
基、スルホ基、ニトロソ基、カルボキシ基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、メチル
スルファニル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ基及びＮ－メチルアミノ基が好ましく、ハロゲ
ン原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ｓｅｃ－ブチル基、シアノ基、ニトロ基
、トリフルオロメチル基がより好ましく、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ｓｅｃ
－ブチル基、ペンチル基及びヘキシル基が特に好ましい。
【００３３】
　Ｑ３及びＱ４で表される脂肪族炭化水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基
、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、
ペンチル基、１－メチルブチル基、３－メチルブチル基、ヘキシル基、１－メチルペンチ
ル基、４－メチルペンチル基、ヘプチル基、１－メチルヘキシル基、５－メチルヘキシル
基、オクチル基、１－メチルヘプチル基、ノニル基、１－メチルオクチル基、デシル基、
ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデ
シル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基及びエイコシル基等が挙げられ
る。これらの中でも、炭素数１～１２のアルキル基が好ましく、メチル基及びエチル基が
特に好ましい。
【００３４】
　Ｑ３及びＱ４で表される脂環式炭化水素基としては、シクロプロピル基、シクロブチル
基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シク
ロノニル基及びシクロデシル基等が挙げられ、炭素数３～１２の脂環式炭化水素基（環状
アルキル基）が好ましい。
【００３５】
　Ｑ３及びＱ４で表される芳香族炭化水素基としては、フェニル基、ビフェニル基、１－



(11) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

ナフチル基、２－ナフチル基、１－フルオレニル基、２－フルオレニル基及び３－フルオ
レニル基等が挙げられ、炭素数６～１４の芳香族炭化水素基が好ましい。
【００３６】
　Ｑ３及びＱ４で表される脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素基は
それぞれ置換基を有していてもよい。該置換基としては、前記Ｚ１として例示したものが
挙げられる。Ｒ2及びＲ3で表される炭素数１～６のアルキル基であり、中でも炭素数１～
４のアルキル基が好ましく、メチル基及びエチル基がより好ましく、メチル基が特に好ま
しい。
【００３７】
　ここで、Ｑ３及びＱ４は、互いに結合して芳香環又は芳香族複素環を形成していてもよ
い。Ｑ３とＱ４が形成する環としては芳香族複素環が好ましく、例えば、化合物（Ａ）中
の式（Ｑ’）

で示される部分構造が、式（Ｑ）で示される構造であるとより好ましい。
【００３８】

［式（Ｑ）中、
　Ｘ2は、式（Ａ）中のＸ1として例示した原子又は基と同じであり、Ｙ２は、式（Ａ）中
のＹ１として例示した基と同じである。］
【００３９】
　以上、Ｘ1、Ｙ1、Ｑ３及びＱ４のそれぞれについて具体例を示しつつ説明したが、これ
らの組合せの具体例を、化合物（Ａ）中の式（ａｒ）
【００４０】

で示される部分構造で表すと、以下の式（ａｒ－１）～式（ａｒ－１３５）からなる群よ
り選ばれるものを挙げることができる。
【００４１】
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【００４３】

【００４４】

【００４５】
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【００４６】

【００４７】

【００４８】

【００４９】

【００５０】
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【００５２】

【００５３】

【００５４】
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【００５６】

【００５７】
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【００５８】

【００５９】

【００６０】

【００６１】
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【００６６】

【００６７】
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【００６８】
　以上の式（ａｒ）で示される部分構造の中では、式（ａｒ－８６）で表される構造が好
ましく、該式（ａｒ－８６）で表される構造を含む化合物（Ａ）が、該化合物（Ａ）自体
の製造がより容易であり、該化合物（Ａ）を含む本組成物から形成される光学フィルムの
位相差の波長分散性を制御しやすいため、好ましい。
【００６９】
　式（Ａ）中のＤ1及びＤ2は、それぞれ独立に、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｏ－Ｃ（＝Ｓ）
－、－Ｏ－ＣＲ4Ｒ5－、－ＮＲ4－ＣＲ5Ｒ6－又は－ＮＲ4－ＣＯ－が好ましく、より好ま
しくは＊－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、＊－Ｏ－Ｃ（＝Ｓ）－、＊－Ｏ－ＣＲ4Ｒ5－、＊－ＮＲ4

－ＣＲ5Ｒ6－又は＊－ＮＲ4－ＣＯ－、さらに好ましくは＊－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、＊－Ｏ
－Ｃ（＝Ｓ）－又は＊－ＮＲ4－ＣＯ－（ここで、＊は、式（ａｒ）で示される部分構造
における、Ｑ1及びＱ2が結合しているベンゼン環との結合手を表わす）である。
【００７０】
　Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6及びＲ7は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基で
あることが好ましく、水素原子、メチル基又はエチル基であることがより好ましい。
【００７１】
　Ｇ1及びＧ2で表される２価の脂環式炭化水素基としては、単環式炭化水素基や、橋かけ
環式炭化水素基が挙げられ、５員環又は６員環であることが好ましい。該脂環式炭化水素
基は、飽和でも不飽和でもよいが飽和脂環式炭化水素基が好ましい。また、Ｇ1及びＧ2で
表される脂環式炭化水素基は、それを構成するメチレン基が、酸素原子、硫黄原子又は－
ＮＨ－に置き換わる場合や、それを構成するメチン基が第三級窒素原子に置き換わる場合
もある。すなわち、Ｇ1及びＧ2はヘテロ原子を含む基であってもよい。ここで、Ｇ1及び
Ｇ2の具体例を挙げると、式（ｇ－１）～式（ｇ－１０）でそれぞれ表されるものである
。
【００７２】

【００７３】
　Ｇ1及びＧ2で表される２価の脂環式炭化水素基に含まれる水素原子は、置換基（以下、
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場合により「置換基Ｚ2」という）で置換されていてもよい。前記置換基Ｚ2としては、メ
チル基、エチル基、イソプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基等の炭素数１～４のアルキル基
；メトキシ基、エトキシ基等の炭素数１～４のアルコキシ基；トリフルオロメチル基等の
炭素数１～４のフルオロアルキル基；トリフルオロメトキシ基等の炭素数１～４のフルオ
ロアルコキシ基；シアノ基；ニトロ基；フッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原
子が挙げられる。
【００７４】
　Ｇ1及びＧ2としては、式（ｇ－１）で表される２価の脂環式炭化水素基であることが好
ましい。中でも、Ｇ1及びＧ2がともにシクロヘキサン－１，４－ジイル基であることがよ
り好ましく、ｔｒａｎｓ－シクロヘキサン－１，４－ジイル基であることが特に好ましい
。
【００７５】
　式（Ａ）中のＬ1及びＬ2はそれぞれ独立して１価の有機基であり、Ｌ1及びＬ2のうち少
なくとも一方が重合性基を有する有機基である。
　より好ましくは、Ｌ1は、式（Ａ１）で表される基（以下、場合により「基（Ａ１）」
という）であり、Ｌ2は式（Ａ２）で表される基（以下、場合により「基（Ａ２）」とい
う）である。
【００７６】
　Ｐ1－Ｆ1－（Ｂ1－Ａ1）k－Ｅ1－　　　　　（Ａ１）
　Ｐ2－Ｆ2－（Ｂ2－Ａ2）l－Ｅ2－　　　　　（Ａ２）
［式（Ａ１）及び式（Ａ２）中、
　Ｂ１、Ｂ２、Ｅ１及びＥ２は、それぞれ独立に、－ＣＲ４Ｒ５－、－ＣＨ２－ＣＨ２－
、－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＳ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＳ－Ｏ－
、－ＣＯ－ＮＲ1－、－Ｏ－ＣＨ２－、－Ｓ－ＣＨ２－又は単結合を表す。
　Ａ１及びＡ２は、それぞれ独立に、炭素数５～８の２価の脂環式炭化水素基又は炭素数
６～１８の２価の芳香族炭化水素基を表し、該脂環式炭化水素基を構成するメチレン基は
、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－に置き換っていてもよく、該脂環式炭化水素基を構成
するメチン基は、第三級窒素原子に置き換っていてもよい。
　ｋ及びｌは、それぞれ独立に、０～３の整数を表す。ｋが２以上の整数である場合、複
数のＢ１は互いに同一であっても異なっていてもよく、複数のＡ１は互いに同一であって
も異なっていてもよい。ｌが２以上の整数である場合、複数のＢ２は互いに同一であって
も異なっていてもよく、複数のＡ２は互いに同一であっても異なっていてもよい。
　Ｆ１及びＦ２は、炭素数１～１２の２価の脂肪族炭化水素基を表す。
　Ｐ１は、重合性基を表す。
　Ｐ２は、水素原子又は重合性基を表す。
　Ｒ４及びＲ５は、前記と同じ意味を表す。］
【００７７】
　基（Ａ１）及び基（Ａ２）において、Ａ1及びＡ2で表される２価の脂環式炭化水素基の
具体例は、前記Ｇ1及びＧ2の２価の脂環式炭化水素基として例示したものと同じであり、
その好適例も、Ｇ1及びＧ2の好適例と同じである。Ａ1及びＡ2で表される２価の芳香族炭
化水素基としては、単環式であっても、多環式（複数の芳香環が単結合で転結されている
多環式及び縮合多環式を含む）であってもよい。Ａ1及びＡ2で表される２価の芳香族炭化
水素基としては、例えば、式（ａ－１）～式（ａ－８）でそれぞれ表されるものが挙げら
れる。また、Ａ1及びＡ2で表される芳香族炭化水素基としては、対称軸又は対称面がある
基が好ましい。
【００７８】
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【００７９】
　Ａ1及びＡ2で表される脂環式炭化水素基及び芳香族炭化水素基に含まれる水素原子は、
置換基で置換されていてもよい。該置換基としては、Ｇ1及びＧ2で表される脂環式炭化水
素基が任意に有することもある置換基Ｚ2として例示したものと同じものが挙げられる。
【００８０】
　Ａ1及びＡ2としては、それぞれ独立に、１，４－フェニレン基又はシクロヘキサン－１
，４－ジイルであることが好ましく、化合物（Ａ）の製造がより容易となる点から、１，
４－フェニレン基であることが好ましい。
【００８１】
　Ｂ1及びＢ2は、化合物（Ａ）の製造が容易となる傾向にあることから同種類の基である
ことが好ましい。また、ｋ、ｌが２以上の整数である場合、２つのＡ1の間にあるＢ1、２
つのＡ2の間にあるＢ2は、－ＣＨ2－ＣＨ2－、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－
Ｏ－ＣＨ2－又は単結合であると、化合物（Ａ）の製造がより容易になる傾向があり好ま
しい。高い液晶性を示す光学フィルムを形成し易いという点から、２つのＡ1の間にある
Ｂ1、２つのＡ2の間にあるＢ2はともに、－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－であることが好ましい。
　Ｆ1と結合しているＢ1、及びＦ2と結合しているＢ2は、それぞれ独立に、－Ｏ－、－Ｃ
（＝Ｏ）－Ｏ－、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｏ－Ｃ（＝Ｏ）－Ｏ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－Ｎ
Ｈ－ＣＯ－又は単結合であることがより好ましい。
【００８２】
　ｋ及びｌは、それぞれ独立に、０～３の整数を表すことが好ましく、ｋ及びｌは０～２
であることがより好ましい。ｋ及びｌの合計は、５以下が好ましく、４以下がより好まし
い。ｋ及びｌが上記の範囲であると、化合物（Ａ）がより液晶性を示しやすくなる傾向が
ある。
【００８３】
　Ｆ1及びＦ2は、それぞれ独立に、炭素数１～１２のアルカンジイル基であることが好ま
しく、直鎖のアルカンジイル基であることがより好ましい。特に、無置換のアルカンジイ
ル基が好ましい。該アルカンジイル基に含まれる水素原子は、炭素数１～５のアルコキシ
基又はハロゲン原子に置換されていてもよい。また、該アルカンジイル基に含まれるメチ
レン基は、酸素原子又は－Ｃ（＝Ｏ）－に置換されていてもよい。
【００８４】
　Ｐ1及びＰ2は、水素原子又は重合性基であり、少なくとも一方が重合性基である。硬度
がより優れる光学フィルムを得ようとする場合には、Ｐ１及びＰ２がともに重合性基であ
る、化合物（Ａ）を含む本組成物が好ましい。
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【００８５】
　ここで重合性基とは、化合物（Ａ）を重合させることのできる特性基を意味し、具体的
には、ビニル基、ビニルオキシ基、スチリル基、ｐ－（２－フェニルエテニル）フェニル
基、アクリロイル基、メタクリロイル基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ
基等のエチレン性不飽和基を有する重合性基；カルボキシ基；アセチル基；ヒドロキシ基
；カルバモイル基；炭素数１～４のアルキルアミノ基；アミノ基；オキシラニル基；オキ
セタニル基、ホルミル基、イソシアナト基又はイソチオシアナト基等が例示される。
　重合性基としては、化合物（Ａ）を光重合させるのに適したラジカル重合性基及びカチ
オン重合性基が好ましく、特に、アクリロイル基、メタクロイル基、アクリロイルオキシ
基及びメタクリロイルオキシ基が好ましい。中でも重合性基が、それぞれ独立に、アクリ
ロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基であることが好ましく、特にアクリロイルオ
キシ基であることが好ましい。
【００８６】
　以上、基（Ａ１）及び基（Ａ２）について具体例を示しつつ説明したが、化合物（Ａ）
の製造上の容易さを考慮すると、該基（Ａ１）と基（ａ２）とは同一種であること、すな
わち、Ｌ１とＬ２とは同一種であることが好ましい。
　同様に、化合物（Ａ）において、Ｄ1とＤ2とは同一種の基であり、Ｇ1とＧ2とは同一種
の基であること、すなわち、化合物（Ａ）において、－Ｄ1－Ｇ1－Ｌ1で表される基と、
－Ｄ2－Ｇ2－Ｌ2で表される基とが同一種の基であると好ましい。このようにすると、化
合物（Ａ）をより容易に製造することができる。
【００８７】
　Ｌ1が式（Ａ１）で表される基である場合の－Ｄ1－Ｇ1－Ｌ1の具体例、及び、Ｌ2が式
（Ａ２）で表される基である場合の－Ｄ2－Ｇ2－Ｌ2の具体例としては、下記式（Ｒ－１
）～式（Ｒ－１３４）でそれぞれ表される基等が挙げられる。
　なお、式（Ｒ－１）～式（Ｒ－１３４）におけるｎは２～１２の整数を表し、好ましく
は３～１０、さらに好ましくは４～８である。
【００８８】
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【００８９】

【００９０】



(24) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９１】

【００９２】



(25) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

【００９３】



(26) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９４】



(27) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９５】



(28) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９６】



(29) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９７】



(30) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９８】



(31) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【００９９】



(32) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

【０１００】
　Ｌ１が基（Ａ１）であり、Ｌ２が基（Ａ２）である化合物（Ａ）は、さらに式（１）及
び式（２）の関係をともに満たすことが好ましい。
　　　（Ｎπ－４）／３＜ｋ＋ｌ＋４　　　（１）
　　　１２≦Ｎπ≦２２　　　（２）
　［式（１）及び式（２）中、Ｎπは、式（Ａ）において、－Ｄ1－Ｇ1－Ｌ1、－Ｄ2－Ｇ
2－Ｌ2を除いた部分が有する芳香環に含まれるπ電子の数を表す。ｋ及びｌは、前記と同
じ意味を表す。］
【０１０１】
　化合物（Ａ）としては、例えば、下記化合物（ｉ）～化合物（ｘｘｖｉｉ）が挙げられ
る。なお、表１中のＲ１は、－Ｄ1－Ｇ1－Ｌ1を、Ｒ２は、－Ｄ2－Ｇ2－Ｌ2を表す。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
　表１において、例えば、（ｘｖｉ）で表される化合物（Ａ）（以下、この化合物（Ａ）
を表１中の番号に応じて、「化合物（ｘｖｉ）」のようにいう）は、式（ａｒ）で表され
る部分構造が、式（ａｒ－３９）で表される構造であり、－Ｄ１－Ｇ１－Ｌ１で表される
基が上述の（Ｒ－１）～（Ｒ－４８）、（Ｒ－５６）～（Ｒ－１２０）及び（Ｒ－１２９
）～（Ｒ－１３１）からなる群より選ばれる基であり、－Ｄ２－Ｇ２－Ｌ２で表される基
が上述の（Ｒ－１）～（Ｒ－４８）及び（Ｒ－５６）～（Ｒ－１３１）からなる群より選
ばれる基である化合物を意味する。
　例えば、化合物（ｘｖｉ）は、式（ａｒ）で表される部分構造が、式（ａｒ－３９）で
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表される構造であり、－Ｄ１－Ｇ１－Ｌ１で表される基が上述の（Ｒ－１）～（Ｒ－４８
）、（Ｒ－５６）～（Ｒ－１２０）及び（Ｒ－１２９）～（Ｒ－１３１）からなる群より
選ばれる基であり、－Ｄ２－Ｇ２－Ｌ２で表される基が上述の（Ｒ－１）～（Ｒ－４８）
及び（Ｒ－５６）～（Ｒ－１３１）からなる群より選ばれる基である化合物と、式（ａｒ
－４０）で表される構造であり、－Ｄ１－Ｇ１－Ｌ１で表される基が上述の（Ｒ－１）～
（Ｒ－４８）、（Ｒ－５６）～（Ｒ－１２０）及び（Ｒ－１２９）～（Ｒ－１３１）から
なる群より選ばれる基であり、－Ｄ２－Ｇ２－Ｌ２で表される基が上述の（Ｒ－１）～（
Ｒ－４８）及び（Ｒ－５６）～（Ｒ－１３１）からなる群より選ばれる基である化合物と
の混合物であることを意味する。
【０１０４】
　表１の化合物の具体例としては、例えば以下のような化合物が挙げられる。表１で示し
た化合物（Ａ）の中では、化合物（ｉ）、化合物（ｉｉｉ）、化合物（ｉｖ）、化合物（
ｖ）、化合物（ｖｉｉｉ）、化合物（ｉｘ）、化合物（ｘ）、化合物（ｘｖ）、化合物（
ｘｖｉｉ）、化合物（ｘｖｉｉｉ）、化合物（ｘｉｘ）、化合物（ｘｘ）、化合物（ｘｘ
ｉｉ）、化合物（ｘｘｉｉｉ）、化合物（ｘｘｉｖ）及び化合物（ｘｘｖ）の代表的な構
造式を例示する。以下の化学式は、全ての立体異性体を含むものとする。また、化合物（
ｉ）～（xxv）は、シクロヘキサン－１，４－ジイル基が、全てｔｒａｎｓ－シクロヘキ
サン－１，４－ジイル基であることが好ましい。
【０１０５】
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【０１１８】
　さらに、化合物（Ａ）としては、式（Ａ１）～式（Ａ６１）でそれぞれ表されるものも
挙げられる。
【０１１９】

（式（Ａ１）中の２つの＊は、（Ａ１－１）～（Ａ１－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２０】
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（式（Ａ２）中の２つの＊は、（Ａ２－１）～（Ａ２－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２１】

（式（Ａ３）中の２つの＊は、（Ａ３－１）～（Ａ３－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２２】

（式（Ａ４）中の２つの＊は、（Ａ４－１）～（Ａ４－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２３】
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（式（Ａ５）中の２つの＊は、（Ａ５－１）～（Ａ５－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２４】

（式（Ａ６）中の２つの＊は、（Ａ６－１）～（Ａ６－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２５】

（式（Ａ７）中の２つの＊は、（Ａ７－１）～（Ａ７－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２６】
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（式（Ａ８）中の２つの＊は、（Ａ８－１）～（Ａ８－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２７】

（式（Ａ９）中の２つの＊は、（Ａ９－１）～（Ａ９－８）のいずれかの＊と結合してい
る。）
【０１２８】

（式（Ａ１０）中の２つの＊は、（Ａ１０－１）～（Ａ１０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１２９】
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（式（Ａ１１）中の２つの＊は、（Ａ１１－１）～（Ａ１１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３０】

（式（Ａ１２）中の２つの＊は、（Ａ１２－１）～（Ａ１２－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３１】

（式（Ａ１３）中の２つの＊は、（Ａ１３－１）～（Ａ１３－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３２】
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（式（Ａ１４）中の２つの＊は、（Ａ１４－１）～（Ａ１４－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３３】

（式（Ａ１５）中の２つの＊は、（Ａ１５－１）～（Ａ１５－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３４】

（式（Ａ１６）中の２つの＊は、（Ａ１６－１）～（Ａ１６－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３５】
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（式（Ａ１７）中の２つの＊は、（Ａ１７－１）～（Ａ１７－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３６】

（式（Ａ１８）中の２つの＊は、（Ａ１８－１）～（Ａ１８－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３７】

（式（Ａ１９）中の２つの＊は、（Ａ１９－１）～（Ａ１９－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３８】
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（式（Ａ２０）中の２つの＊は、（Ａ２０－１）～（Ａ２０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１３９】

（式（Ａ２１）中の２つの＊は、（Ａ２１－１）～（Ａ２１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４０】

（式（Ａ２２）中の２つの＊は、（Ａ２２－１）～（Ａ２２－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４１】
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（式（Ａ２３）中の２つの＊は、（Ａ２３－１）～（Ａ２３－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４２】

（式（Ａ２４）中の２つの＊は、（Ａ２４－１）～（Ａ２４－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４３】

（式（Ａ２５）中の２つの＊は、（Ａ２５－１）～（Ａ２５－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４４】
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（式（Ａ２６）中の２つの＊は、（Ａ２６－１）～（Ａ２６－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４５】

（式（Ａ２７）中の２つの＊は、（Ａ２７－１）～（Ａ２７－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４６】

（式（Ａ２８）中の２つの＊は、（Ａ２８－１）～（Ａ２８－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４７】
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（式（Ａ２９）中の２つの＊は、（Ａ２９－１）～（Ａ２９－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４８】

（式（Ａ３０）中の２つの＊は、（Ａ３０－１）～（Ａ３０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１４９】

（式（Ａ３１）中の２つの＊は、（Ａ３１－１）～（Ａ３１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５０】
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（式（Ａ３２）中の２つの＊は、（Ａ３２－１）～（Ａ３２－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５１】

（式（Ａ３３）中の２つの＊は、（Ａ３３－１）～（Ａ３３－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５２】

（式（Ａ３４）中の２つの＊は、（Ａ３４－１）～（Ａ３４－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５３】
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（式（Ａ３５）中の２つの＊は、（Ａ３５－１）～（Ａ３５－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５４】

（式（Ａ３６）中の２つの＊は、（Ａ３６－１）～（Ａ３６－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５５】

（式（Ａ３７）中の２つの＊は、（Ａ３７－１）～（Ａ３７－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５６】
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（式（Ａ３８）中の２つの＊は、（Ａ３８－１）～（Ａ３８－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５７】

（式（Ａ３９）中の２つの＊は、（Ａ３９－１）～（Ａ３９－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５８】

（式（Ａ４０）中の２つの＊は、（Ａ４０－１）～（Ａ４０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１５９】
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（式（Ａ４１）中の２つの＊は、（Ａ４１－１）～（Ａ４１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６０】

（式（Ａ４２）中の２つの＊は、（Ａ４２－１）～（Ａ４２－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６１】

（式（Ａ４３）中の２つの＊は、（Ａ４３－１）～（Ａ４３－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６２】
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（式（Ａ４４）中の２つの＊は、（Ａ４４－１）～（Ａ４４－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６３】

（式（Ａ４５）中の２つの＊は、（Ａ４５－１）～（Ａ４５－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６４】

（式（Ａ４６）中の２つの＊は、（Ａ４６－１）～（Ａ４６－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６５】
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（式（Ａ４７）中の２つの＊は、（Ａ４７－１）～（Ａ４７－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６６】

（式（Ａ４８）中の２つの＊は、（Ａ４８－１）～（Ａ４８－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６７】

（式（Ａ４９）中の２つの＊は、（Ａ４９－１）～（Ａ４９－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６８】
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（式（Ａ５０）中の２つの＊は、（Ａ５０－１）～（Ａ５０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１６９】

（式（Ａ５１）中の２つの＊は、（Ａ５１－１）～（Ａ５１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７０】

（式（Ａ５２）中の２つの＊は、（Ａ５２－１）～（Ａ５２－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７１】
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（式（Ａ５３）中の２つの＊は、（Ａ５３－１）～（Ａ５３－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７２】

（式（Ａ５４）中の２つの＊は、（Ａ５４－１）～（Ａ５４－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７３】

（式（Ａ５５）中の２つの＊は、（Ａ５５－１）～（Ａ５５－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７４】
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（式（Ａ５６）中の２つの＊は、（Ａ５６－１）～（Ａ５６－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７５】

（式（Ａ５７）中の２つの＊は、（Ａ５７－１）～（Ａ５７－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７６】

（式（Ａ５８）中の２つの＊は、（Ａ５８－１）～（Ａ５８－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７７】
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（式（Ａ５９）中の２つの＊は、（Ａ５９－１）～（Ａ５９－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７８】

（式（Ａ６０）中の２つの＊は、（Ａ６０－１）～（Ａ６０－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１７９】

（式（Ａ６１）中の２つの＊は、（Ａ６１－１）～（Ａ６１－８）のいずれかの＊と結合
している。）
【０１８０】
　また、化合物（Ａ）としては、以下のものも使用できる。
【０１８１】
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【０１８３】

【０１８４】
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【０１８５】



(69) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

【０１８６】

【０１８７】

【０１８８】
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【０１８９】

【０１９０】
　化合物（Ａ）は、Methoden der Organischen Chemie、Organic Reactions、Organic Sy
ntheses、Comprehensive Organic Synthesis、新実験化学講座等に記載されている、縮合
反応、エステル化反応、ウイリアムソン反応、ウルマン反応、ウイッティヒ反応、シッフ
塩基生成反応、ベンジル化反応、薗頭反応、鈴木－宮浦反応、根岸反応、熊田反応、檜山
反応、ブッフバルト－ハートウィッグ反応、フリーデルクラフト反応、ヘック反応、アル
ドール反応等を、その構造に応じて、適宜組み合わせることにより、製造することができ
る。
【０１９１】
　Ｄ１及びＤ２が＊－Ｏ－ＣＯ－である場合の化合物（Ａ）を例にとり、その製造方法を
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簡単に説明する。まず、式（１－１）で表される化合物（化合物（１－１））及び式（１
－２）で表される化合物（化合物（１－２））をそれぞれ準備し、この化合物（１－１）
と化合物（１－２）とを反応させることにより、式（１－３）で表される化合物（化合物
（１－３））を得る。
【０１９２】

［式中、Ｘ1、Ｙ1、Ｑ1、及びＱ2は、式（Ａ）中と同一の意味を表わす。］
【０１９３】

［式中、Ｇ１、Ｅ１、Ａ１、Ｂ１、Ｆ１、Ｐ１及びｋは前記と同じ意味を表わす。］
【０１９４】

［式中、Ｘ1、Ｙ1、Ｑ1、Ｑ2、Ｇ１、Ｅ１、Ａ１、Ｂ１、Ｆ１、Ｐ１及びｋは前記と同じ
意味を表わす。］
【０１９５】
　次いで、得られた化合物（１－３）と、式（１－４）で表される化合物（化合物（１－
４））とを反応させることにより化合物（Ａ）を製造できる。
【０１９６】

［式中、Ｇ２、Ｅ２、Ａ２、Ｂ２、Ｆ２、Ｐ２及びｌは前記と同じ意味を表わす。］
【０１９７】
　化合物（１－１）と、化合物（１－２）との反応、及び、化合物（１－３）と、化合物
（１－４）との反応は、エステル化剤の存在下に実施することが好ましい。
【０１９８】
　エステル化剤（縮合剤）としては、１－シクロヘキシル－３－（２－モルホリノエチル
）カルボジイミドメト－パラ－トルエンスルホネート、ジシクロヘキシルカルボジイミド
、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド、１－エチル－３－
（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩（一部水溶性カルボジイミド：Wa
ter Soluble Carbodiimideとして市販されている）、ビス（２、６－ジイソプロピルフェ
ニル）カルボジイミド、ビス（トリメチルシリル）カルボジイミド、ビスイソプロピルカ
ルボジイミド等のカルボジイミド；２－メチル－６－ニトロ安息香酸無水物、２，２’－
カルボニルビス－１Ｈ－イミダゾール、１，１’－オキサリルジイミダゾール、ジフェニ
ルホスフォリルアジド、１（４－ニトロベンゼンスルフォニル）－１Ｈ－１、２、４－ト
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リアゾール、１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリピロリジノホスホニウムヘ
キサフルオロホスフェート、１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イルオキシトリス（ジメチ
ルアミノ）ホスホニウムヘキサフルオロホスフェート、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチ
ル－Ｏ－（Ｎ－スクシンイミジル）ウロニウムテトラフルオロボレート、Ｎ－（１，２，
２，２－テトラクロロエトキシカルボニルオキシ）スクシンイミド、Ｎ－カルボベンゾキ
シスクシンイミド、Ｏ－（６－クロロベンゾトリアゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，
Ｎ’－テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレート、Ｏ－（６－クロロベンゾトリア
ゾール－１－イル）－Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルウロニウムヘキサフルオロホス
フェート、２－ブロモ－１－エチルピリジニウムテトラフルオロボレート、２－クロロ－
１，３－ジメチルイミダゾリニウムクロリド、２－クロロ－１，３－ジメチルイミダゾリ
ニウムヘキサフルオロホスフェート、２－クロロ－１－メチルピリジニウムアイオダイド
、２－クロロ－１－メチルピリジニウム　パラートルエンスルホネート、２－フルオロ－
１－メチルピリジニウム　パラートルエンスルホネート、トリクロロ酢酸ペンタクロロフ
ェニルエステ等が挙げられる。中でも、反応性、コスト、広範の溶媒が使用可能である点
から、縮合剤としてはジシクロヘキシルカルボジイミド、１－エチル－３－（３－ジメチ
ルアミノプロピル）カルボジイミド、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）
カルボジイミド塩酸塩、ビス（２、６－ジイソプロピルフェニル）カルボジイミド、ビス
（トリメチルシリル）カルボジイミド、ビスイソプロピルカルボジイミド、２，２’－カ
ルボニルビス－１Ｈ－イミダゾールが好ましい。
【０１９９】
　本組成物における化合物（Ａ）の含有量は、本組成物の固形分に対する含有割合で表し
て、１０～９９．９質量％の範囲が好ましく、２０～９９質量％の範囲がより好ましく、
５０～９７質量％の範囲がさらに好ましく、８０～９５質量％の範囲が特に好ましい。化
合物（Ａ）の含有量が前記の範囲であれば、得られる光学フィルムは、広い波長域におい
て一様の偏光変換が可能なものとなる。ここで、固形分とは、本組成物から後述する溶剤
を除く量をいう。なお、本組成物において、化合物（Ａ）は単独で用いても、２種以上を
併用してもよい。
【０２００】
１－２．メルカプト基を有する化合物（Ｂ）
　本組成物に含まれる（Ｂ）メルカプト基（－ＳＨ）を有する化合物（以下、場合により
、「化合物（Ｂ）」という）としては、２個以上のメルカプト基を分子内に有する化合物
であることが好ましい。２個以上のメルカプト基を含む化合物を用いることにより、本組
成物から光学フィルムを形成する際、例えば基板上に本組成物を塗布とき、結晶化による
成膜異常を抑制し、成膜性が向上することを、本発明者は新たに見出した。
【０２０１】
　化合物（Ｂ）としては、脂肪族基にメルカプト基を複数有する脂肪族多官能チオール化
合物が、液晶の配向を乱しにくいことなどの点から望ましい。
　例えば、脂肪族多官能チオール化合物である化合物（Ｂ）としては、ヘキサンジチオー
ル、デカンジチオール、１、４－ジメチルメルカプトベンゼン、ブタンジオールビスチオ
プロピオネート、ブタンジオールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオグ
リコレート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、トリメチロールプロパ
ントリスチオグリコレート、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、ペン
タエリスリトーグリコネートトリスヒドロキシエチルトリスチオプロピオネート等が挙げ
られる。また、これらの化合物の他に、多価ヒドロキシ化合物のチオグリコレート、チオ
プロピオネート等を用いることもできる。
【０２０２】
　市場から入手できる化合物（Ｂ）としては、例えば、カレンズＭＴＢＤ１、カレンズＭ
ＴＰＥ１（昭和電工製、登録商標）、ＴＭＭＰ、ＰＥＭＰ、ＥＧＭＰ－４、ＤＰＭＰ（堺
化学製）を挙げることができる。
【０２０３】
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　化合物（Ｂ）の好適例の１つとして、－Ｏ－ＣＯ－Ｒ－ＳＨ基（ただし、Ｒは炭素数１
～５の直鎖又は分岐のアルカンジイル基である）を含む化合物（以下、場合により「化合
物（Ｂ１）」という）を挙げることができる。このような化合物は典型的には、以下の式
（Ｂ１）で表される。

式（Ｂ１）中、
　Ｒは前記と同じ意味であり、ｍ１は２～６の整数を表す。Ｂ１はｍ１価の脂肪族炭化水
素基、ｍ価の脂環式炭化水素基又はｍ１価の芳香族炭化水素基であり、ここでいうｍ１価
とは、－Ｏ－ＣＯ－Ｒ－ＳＨ基のＢ１に対する結合数（価数）を意味する。
【０２０４】
　具体的に、化合物（Ｂ１）を例示すると、下記式（２－１）～（２－１３）でそれぞれ
表される化合物が挙げられる。

【０２０５】

【０２０６】
　本組成物における化合物（Ｂ）の含有量は、本組成物の合計１００質量部に対して、０
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．１質量部～１０質量部の範囲が好ましく、０．１質量部～５質量部の範囲がさらに好ま
しい。上記範囲内であれば、組成物の配向性を乱すことなく、本組成物中の重合性成分を
重合させることができる。
【０２０７】
１－３．光重合開始剤（Ｃ）
　本組成物は光重合開始剤を含む。光重合開始剤は、光の作用により活性ラジカルを発生
し、化合物（Ａ）の重合を開始しうる化合物である。光重合開始剤としては、アルキルフ
ェノン化合物、ベンゾイン化合物、ベンゾフェノン化合物及びオキシム化合物等が挙げら
れる。
【０２０８】
　前記アルキルフェノン化合物としては、α－アミノアルキルフェノン化合物、α－ヒド
ロキシアルキルフェノン化合物及びα－アルコキシアルキルフェノン化合物が挙げられる
。
【０２０９】
　前記α－アミノアルキルフェノン化合物としては、２－メチル－２－モルホリノ－１－
（４－メチルスルファニルフェニル）プロパン－１－オン、２－ジメチルアミノ－１－（
４－モルホリノフェニル）－２－ベンジルブタン－１－オン及び２－ジメチルアミノ－１
－（４－モルホリノフェニル）－２－（４－メチルフェニルメチル）ブタン－１－オン等
が挙げられ、好ましくは２－メチル－２－モルホリノ－１－（４－メチルスルファニルフ
ェニル）プロパン－１－オン及び２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）
－２－ベンジルブタン－１－オン等が挙げられる。前記α－アミノアルキルフェノン化合
物は、イルガキュア（登録商標）３６９、３７９ＥＧ、９０７（以上、ＢＡＳＦジャパン
（株）製）、及びセイクオール（登録商標）ＢＥＥ（精工化学社製）等の市販品を用いて
もよい。
【０２１０】
　前記α－ヒドロキシアルキルフェノン化合物としては、２－ヒドロキシ－２－メチル－
１－フェニルプロパン－１－オン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－〔４－（２－ヒド
ロキシエトキシ）フェニル〕プロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニ
ルケトン及び２－ヒドロキシ－２－メチル－１－〔４－（１－メチルビニル）フェニル〕
プロパン－１－オンのオリゴマー等が挙げられる。前記α－ヒドロキシアルキルフェノン
化合物は、イルガキュア１８４、２９５９、１２７（以上、ＢＡＳＦジャパン（株）製）
、及びセイクオールＺ（精工化学社製）等の市販品を用いてもよい。
【０２１１】
　前記α－アルコキシアルキルフェノン化合物としては、ジエトキシアセトフェノン、ベ
ンジルジメチルケタール等が挙げられる。前記α－アルコキシアルキルフェノン化合物は
、イルガキュア６５１（以上、ＢＡＳＦジャパン（株）製）等の市販品を用いてもよい。
【０２１２】
　前記アルキルフェノン化合物としては、α－アミノアルキルフェノン化合物が好ましく
、式（Ｃ－１）で表される化合物がより好ましい。本組成物に含まれる光重合開始剤が、
これらの化合物であると、得られる光学フィルムの耐熱性及び耐湿熱性に優れる傾向があ
る。
【０２１３】

［式（Ｃ－１）中、Ｑ3は、水素原子又はメチル基を表す。］
【０２１４】
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　前記ベンゾイン化合物としては、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベ
ンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル及びベンゾインイソブチルエ
ーテル等が挙げられる。
【０２１５】
　前記ベンゾフェノン化合物としては、例えば、ベンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息香
酸メチル、４－フェニルベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニルサル
ファイド及び３，３’，４，４’－テトラ（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシカルボニル）ベ
ンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベンゾフェノン等が挙げられる。
【０２１６】
　前記オキシム化合物としては、Ｎ－ベンゾイルオキシ－１－（４－フェニルスルファニ
ルフェニル）ブタン－１－オン－２－イミン、Ｎ－ベンゾイルオキシ－１－（４－フェニ
ルスルファニルフェニル）オクタン－１－オン－２－イミン、Ｎ－アセトキシ－１－［９
－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］エタン－１
－イミン及びＮ－アセトキシ－１－［９－エチル－６－｛２－メチル－４－（３，３－ジ
メチル－２，４－ジオキサシクロペンタニルメチルオキシ）ベンゾイル｝－９Ｈ－カルバ
ゾール－３－イル］エタン－１－イミン等が挙げられる。前記オキシム化合物としては、
イルガキュアＯＸＥ－０１、ＯＸＥ－０２（以上、ＢＡＳＦジャパン社製）、Ｎ－１９１
９（ＡＤＥＫＡ社製）等の市販品を用いてもよい。
【０２１７】
　前記光重合開始剤は、前記アセトフェノン化合物、前記ベンゾイン化合物、前記ベンゾ
フェノン化合物、前記オキシム化合物等を、単独で使用してもよいし、２種以上を併用し
てもよい。これらの中でも光重合開始剤としてアセトフェノン化合物を用いることが好ま
しい。前記アセトフェノン化合物の使用量は、光重合開始剤全量に対して、９０質量部以
上であることが好ましく、光重合開始剤全量がアセトフェノン化合物であることがより好
ましい。
【０２１８】
　本組成物における光重合開始剤の含有量は、本組成物の固形分に対する含有割合で表し
て、好ましくは０．１質量％～３０質量％の範囲であり、より好ましくは０．５質量％～
１０質量％の範囲である。上記範囲内であれば、本組成物に含まれる重合性成分を重合す
る際に、化合物（Ａ）の配向を乱すことをより抑制できる。
【０２１９】
１－４．液晶化合物（Ａ’）
　本発明の組成物は、化合物（Ａ）とは異なる液晶化合物（以下、場合により「液晶化合
物（Ａ’）」という）を含んでいてもよい。前記液晶化合物（Ａ’）の具体例としては、
液晶便覧（液晶便覧編集委員会編、丸善（株）平成１２年１０月３０日発行）の３章　分
子構造と液晶性の、３．２　ノンキラル棒状液晶分子、３．３　キラル棒状液晶分子に記
載された化合物、特開２０１０－３１２２３号公報に記載された化合物等が挙げられる。
なかでも、重合性基を有していてかつ液晶性を示す化合物が好ましい。前記液晶化合物（
Ａ’）は、単独で又は２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【０２２０】
　前記液晶化合物（Ａ’）としては、例えば、式（３）で表される化合物（以下、場合に
より「化合物（３）」という）等が挙げられる。
【０２２１】
　Ｐ11－Ｅ11－（Ｂ11－Ａ11）t－Ｂ12－Ｇ　　　（３）
［式（３）中、
　Ａ11は、置換基を有していてもよい芳香族複素環、置換基を有していてもよい芳香族炭
化水素基又は置換基を有していてもよい脂環式炭化水素基を表す。
　Ｂ11及びＢ12は、それぞれ独立に、－Ｃ≡Ｃ－、－ＣＨ＝ＣＨ－、－ＣＨ2－ＣＨ2－、
－Ｏ－、－Ｓ－、－ＣＯ－、－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＳ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＲ13Ｒ14

－、－ＣＲ13Ｒ14－ＣＲ15Ｒ16－、－Ｏ－ＣＲ13Ｒ14－、－ＣＲ13Ｒ14－Ｏ－ＣＲ15Ｒ16
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－、－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ13Ｒ14－、－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ13Ｒ14－、－ＣＲ13Ｒ14－Ｏ－ＣＯ－
ＣＲ15Ｒ16－、－ＣＲ13Ｒ14－ＣＯ－Ｏ－ＣＲ15Ｒ16－、－ＮＲ13－ＣＲ14Ｒ15－、－Ｃ
Ｈ＝Ｎ－、－Ｎ＝Ｎ－、－ＣＯ－ＮＲ16－、－ＯＣＨ2－、－ＯＣＦ2－、－ＣＨ2Ｏ－、
－ＣＦ2Ｏ－、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯ－Ｏ－又は単結合を表す。Ｒ13～Ｒ16は、水素原子又
は炭素数１～４のアルキル基を表す。
　Ｇは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数１～１３のアルキル基、炭素数１～１３のアル
コキシ基、炭素数１～１３のフルオロアルキル基、炭素数１～１３のＮ－アルキルアミノ
基、シアノ基、ニトロ基又は－Ｅ12－Ｐ12を表す。
　Ｅ11及びＥ12は、炭素数１～１８のアルカンジイル基を表し、該アルカンジイル基に含
まれる水素原子は、ハロゲン原子で置換されていてもよく、該アルカンジイルきに含まれ
るメチレン基は、酸素原子又は－ＣＯ－に置き換わっていてもよい。
　Ｐ11及びＰ12は、重合性基を表す。
　ｔは、１～５の整数を表す。ｔが２以上の整数である場合、複数のＢ11は互いに同一で
あっても異なっていてもよく、複数のＡ11は、互いに同一であっても異なっていてもよい
。］
【０２２２】
　Ａ11で表される芳香族炭化水素環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン
環及びフェナンスロリン環等が挙げられ、芳香族複素環としては、フラン環、ピロール環
、チオフェン環、ピリジン環、チアゾール環及びベンゾチアゾール環等が挙げられる。中
でも、ベンゼン環、チアゾール環及びベンゾチアゾール環が好ましい。Ａ11で表される芳
香族炭化水素環又は芳香族複素環としては、例えば式（Ａｒ－１）～式（Ａｒ－１１）で
それぞれ表される２価の基が挙げられる。
【０２２３】

［式（Ａｒ－１）～式（Ａｒ－１１）中、
　Ｘ3は、式（Ａ）中のＸ３と同じ意味を表す。同一基中に存在する複数のＸ1は互いに同
一であっても異なっていてもよい。
　Ｙ3は、式（Ａ）中のＹ1として例示した基と同じものを表す。
　Ｚ3は、式（Ａ）中のＺ1として例示した基と同じものを表す。
　Ｗａ及びＷｂは、それぞれ独立に、水素原子、シアノ基、メチル基又はハロゲン原子を
表す。
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　ｍは、０～６の整数を表す。
　ｎは、０～４の整数を表す。
　ｏは、０～２の整数を表す。
　ｍ、ｎ及びｏが２以上の整数である場合、同一基中に存在する複数のＺ3は互いに同一
であっても異なっていてもよい。］
【０２２４】
　Ａ11で表される芳香族炭化水素環又は芳香族複素環としては、式（Ａｒ－１）及び式（
Ａｒ－７）でそれぞれ表される基が好ましく、具体的には下記の基が例示される。

【０２２５】
　Ａ11で表される脂環式炭化水素基の炭素数は、例えば３～１８の範囲であり、５～１２
の範囲であることが好ましく、５又は６であることが特に好ましい。Ａ11で表される脂環
式炭化水素基としては、シクロヘキサン－１，４－ジイル基等が挙げられる。該脂環式炭
化水素基が有していてもよい置換基としては、ハロゲン原子、フルオロ基を有していても
よい炭素数１～６のアルキル基、フルオロ基を有していてもよい炭素数１～６のアルコキ
シ基、ニトロ基及びシアノ基が挙げられる。
【０２２６】
　Ｐ11及びＰ12で表される重合性基としては、化合物（Ａ）のＰ1及びＰ2で表される重合
性基として例示したものと同じ基が挙げられる。より低温で重合できる（硬化できる）こ
とから光重合性基が好ましく、ラジカル重合性基又はカチオン重合性基が好ましく、特に
取り扱いが容易な上、化合物（３）の製造も容易であることから、Ｐ11及びＰ12で表され
る重合性基としては、式（Ｐ－１）～（Ｐ－５）でそれぞれ表される基が好ましい。
【０２２７】

［式（Ｐ－１）～（Ｐ－５）中、
　Ｒ17～Ｒ21はそれぞれ独立に、炭素数１～６のアルキル基又は水素原子を表す。＊は、
Ｂ11との結合手を表す。］
【０２２８】
　Ｅ11及びＥ12は、炭素数１～１８のアルカンジイル基であり、直鎖状であるか分岐点が
１箇所である炭素数１～１２のアルカンジイル基が好ましい。
【０２２９】
　化合物（３）としては、例えば、以下のものが挙げられる。
【０２３０】
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【０２３１】
　本組成物が液晶化合物（Ａ’）を含む場合、その含有量は、例えば、液晶化合物（Ａ’
）と化合物（Ａ）との合計量１００質量部に対して、液晶化合物（Ａ’）が９０質量部以
下であり、好ましくは７０質量部以下である、さらに好ましくは４０質量部以下である。
【０２３２】
　本組成物により形成される光学フィルムの波長分散特性は、本組成物が化合物（Ａ）と
ともに液晶化合物（Ａ’）を含むことにより制御できる。具体的には、光学フィルムに含
まれる重合体（化合物（Ａ）の重合体、又は化合物（Ａ）と液晶化合物（Ａ’）との（共
）重合体）において、化合物（Ａ）に由来する構造単位の含有量及び液晶化合物（Ａ’）
に由来する構造単位の含有量により所望の波長分散特性を有する光学フィルムを形成でき
る。光学フィルム中にある前記重合体の化合物（Ａ）に由来する構造単位の含有量を増加
させると、より逆波長分散特性を示す傾向がある。所望の波長分散特性を有する光学フィ
ルムを形成するためには、化合物（Ａ）に由来する構造単位の含有量が異なる本組成物を
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２～５種類程度調製し、それぞれの本組成物について、同じ膜厚の光学フィルムを製造し
てその位相差値を求める。そして、結果から、化合物（Ａ）に由来する構造単位の含有量
と光学フィルムの位相差値との相関を求め、得られた相関関係から、上記膜厚における光
学フィルムに所望の位相差値を与えるために必要な化合物（Ａ）に由来する構造単位の含
有量を決定すればよい。
【０２３３】
１－５．有機溶剤
　本組成物は、光学フィルム製造の操作性を良好にするために溶媒、特に有機溶媒を含む
ことが好ましい。有機溶剤としては、化合物（Ａ）等、本組成物の構成成分を溶解し得る
有機溶剤が好ましく、さらには化合物（Ａ）等の重合反応に不活性な溶剤がより好ましい
。具体的には、メタノール、エタノール、エチレングリコール、イソプロピルアルコール
、プロピレングリコール、メチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、プロピレングリコール
モノメチルエーテル及びフェノール等のアルコール系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル、エ
チレングリコールメチルエーテルアセテート、γ－ブチロラクトン、プロピレングリコー
ルメチルエーテルアセテート及び乳酸エチル等のエステル系溶剤；アセトン、メチルエチ
ルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、メチルアミルケトン及びメチルイソブ
チルケトン等のケトン系溶剤；ペンタン、ヘキサン及びヘプタン等の非塩素系脂肪族炭化
水素溶剤；トルエン及びキシレン等の非塩素系芳香族炭化水素溶剤；アセトニトリル等の
ニトリル系溶剤；テトラヒドロフラン及びジメトキシエタン等のエーテル系溶剤；クロロ
ホルム及びクロロベンゼン等の塩素系溶剤；等が挙げられる。これら有機溶剤は、単独で
用いてもよいし、複数種を組み合わせて用いてもよい。これら有機溶剤の中でも、アルコ
ール、エステル系溶剤、ケトン系溶剤、非塩素系脂肪族炭化水素溶剤及び非塩素系芳香族
炭化水素溶剤が好ましい。特に、本組成物を構成する構成成分（化合物（Ａ）、化合物（
Ｂ）及び光重合開始剤）は相溶性に優れ、アルコール系溶剤、エステル系溶剤、ケトン系
溶剤、非塩素系脂肪族炭化水素溶剤及び塩素系芳香族炭化水素溶剤等にも溶解し得ること
から、クロロホルム等の塩素系溶剤を用いなくとも、適当な基板上に塗布して光学フィル
ムを製造できる組成物を得ることができる。
【０２３４】
　なお、本組成物が有機溶媒を含む場合、その含有量は、固形分１００質量部に対して１
０質量部～１００００質量部が好ましく、より好ましくは１００質量部～５０００質量部
である。また、本組成物中の固形分濃度は、好ましくは２質量％～５０質量％であり、よ
り好ましくは５～５０質量％である。
【０２３５】
　また、本組成物は、必要に応じて、光増感剤、レベリング剤及びカイラル剤等の添加剤
を含んでいてもよい。以下、本組成物が任意に含むことがある、これらの添加剤について
説明する。
【０２３６】
１－６．光増感剤
　光増感剤としては、例えば、キサントン及びチオキサントン等のキサントン類；アント
ラセン及びアルキルエーテル等の置換基を有するアントラセン類；フェノチアジン；ルブ
レンを挙げることができる。
　光増感剤を用いることにより、化合物（Ａ）等の重合を高感度化することができる。ま
た、光増感剤の使用量としては、化合物（Ａ）１００質量部に対して、例えば０．１質量
部～３０質量部であり、好ましくは０．５質量部～１０質量部である。
【０２３７】
１－７．レベリング剤
　レベリング剤としては、有機変性シリコーンオイル系、ポリアクリレート系及びパーフ
ルオロアルキル系のレベリング剤等が挙げられる。具体的には、例えば、ＤＣ３ＰＡ、Ｓ
Ｈ７ＰＡ、ＤＣ１１ＰＡ、ＳＨ２８ＰＡ、ＳＨ２９ＰＡ、ＳＨ３０ＰＡ、ＳＴ８０ＰＡ、
ＳＴ８６ＰＡ、ＳＨ８４００、ＳＨ８７００、ＦＺ２１２３（以上、全て東レ・ダウコー
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ニング（株）製）、ＫＰ３２１、ＫＰ３２３、ＫＰ３２４、ＫＰ３２６、ＫＰ３４０、Ｋ
Ｐ３４１、Ｘ２２－１６１Ａ、ＫＦ６００１（以上、全て信越化学工業（株）製）、ＴＳ
Ｆ４００、ＴＳＦ４０１、ＴＳＦ４１０、ＴＳＦ４３００、ＴＳＦ４４４０、ＴＳＦ４４
４５、ＴＳＦ－４４４６、ＴＳＦ４４５２、ＴＳＦ４４６０（以上、全てモメンティブ　
パフォーマンス　マテリアルズ　ジャパン合同会社製）、フロリナート（fluorinert）（
登録商標）ＦＣ－７２、同ＦＣ－４０、同ＦＣ－４３、同ＦＣ－３２８３（以上、全て住
友スリーエム（株）製）、メガファック（登録商標）Ｒ－０８、同Ｒ－３０、同Ｒ－９０
、同Ｆ－４１０、同Ｆ－４１１、同Ｆ－４４３、同Ｆ－４４５、同Ｆ－４７０、同Ｆ－４
７７、同Ｆ－４７９、同Ｆ－４８２、同Ｆ－４８３（以上、いずれもＤＩＣ（株）製）、
エフトップ（商品名）ＥＦ３０１、同ＥＦ３０３、同ＥＦ３５１、同ＥＦ３５２（以上、
全て三菱マテリアル電子化成（株）製）、サーフロン（登録商標）Ｓ－３８１、同Ｓ－３
８２、同Ｓ－３８３、同Ｓ－３９３、同ＳＣ－１０１、同ＳＣ－１０５、ＫＨ－４０、Ｓ
Ａ－１００（以上、全てＡＧＣセイミケミカル（株）製）、商品名Ｅ１８３０、同Ｅ５８
４４（（株）ダイキンファインケミカル研究所製）、ＢＭ－１０００、ＢＭ－１１００、
ＢＹＫ－３５２、ＢＹＫ－３５３、ＢＹＫ－３６１Ｎ（いずれも商品名：ＢＭ　Ｃｈｅｍ
ｉｅ社製）等が挙げられる。これらレベリング剤は、単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。
【０２３８】
　レベリング剤を用いることにより、得られる光学フィルムをより平滑化することができ
る。さらに光学フィルムの製造過程で、組成物（Ａ）の流動性を制御したり、化合物（Ａ
）等を重合して得られる光学フィルムの架橋密度を調整したりすることができる。またレ
ベリング剤の使用量は、化合物（Ａ）１００質量部に対して、例えば０．１質量部～３０
質量部であり、好ましくは０．５質量部～１０質量部である。
【０２３９】
１－８．カイラル剤
　カイラル剤としては、公知のカイラル剤（例えば、液晶デバイスハンドブック、第３章
４－３項、ＴＮ、ＳＴＮ用カイラル剤、１９９頁、日本学術振興会第１４２委員会編、１
９８９に記載）を用いることができる。
　カイラル剤は、一般に不斉炭素原子を含むが、不斉炭素原子を含まない軸性不斉化合物
あるいは面性不斉化合物もカイラル剤として用いることができる。軸性不斉化合物又は面
性不斉化合物の例には、ビナフチル、ヘリセン、パラシクロファン及びこれらの誘導体が
挙げられる。
　例えば、特開２００７－２６９６４０号公報、特開２００７－２６９６３９号公報、特
開２００７－１７６８７０号公報、特開２００３－１３７８８７号公報、特表２０００－
５１５４９６号公報、特開２００７－１６９１７８号公報、特表平９－５０６０８８号公
報に記載されているような化合物が挙げられ、好ましくはＢＡＳＦジャパン（株）製のｐ
ａｌｉｏｃｏｌｏr（登録商標）　ＬＣ７５６が挙げられる。
　カイラル剤の使用量は、たとえば化合物（Ａ）１００質量部に対して、例えば０．１質
量部～３０質量部であり、好ましくは１．０質量部～２５質量部である。上記範囲内であ
れば、組成物に含まれる重合性成分を重合する際に、化合物（Ａ）の配向を乱すことをよ
り抑制できる。
【０２４０】
２．光学フィルム
　続いて、本組成物から形成される光学フィルム（以下、場合により「本光学フィルム」
という）について説明する。
　本光学フィルムは、上述した本組成物に含まれる重合性成分を重合してなるものである
。本光学フィルムは、光を透過し得るフィルムであって、光学的な機能を有するフィルム
である。光学的な機能とは、屈折、複屈折等を意味する。
【０２４１】
　本光学フィルムは、可視光領域における透明性に優れ、様々な表示装置用部材として使
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用し得る。本光学フィルムの厚さは、本光学フィルムの用途のより適宜調節でき、例えば
、その位相差値によって適宜調節すればよいが、０．１μｍ～１０μｍであることが好ま
しく、光弾性を小さくする点で０．２μｍ～５μｍであることがさらに好ましい。
【０２４２】
　表示装置に本光学フィルムを用いる場合、本光学フィルムは単層で用いることもできる
し、本光学フィルム複数枚を積層させて積層体としてもよいし、他のフィルムと組み合わ
せてもよい。他のフィルムと組み合わせて用いることにより、位相差フィルム、視野角補
償フィルム、視野角拡大フィルム、反射防止フィルム、偏光フィルム、円偏光フィルム、
楕円偏光フィルム及び輝度向上フィルム等に利用することができる。
【０２４３】
　特に、本光学フィルムは、化合物（Ａ）の配向状態によって光学特性を変化させること
により、ＶＡ（vertical alignment）モード、ＩＰＳ（in-plane switching）モード、Ｏ
ＣＢ（optically compensated bend）モード、ＴＮ（twisted nematic）モード、ＳＴＮ
（super twisted nematic）モード等、種々の液晶表示装置用の位相差フィルムとして調
整することができる。
【０２４４】
２－１．位相差フィルム
　光学フィルムの一種である位相差フィルムは本光学フィルムの好適な実施態様の一つで
ある。該位相差フィルムは、直線偏光を円偏光や楕円偏光に変換したり、逆に円偏光又は
楕円偏光を直線偏光に変換したり、直線偏光の偏光方向を変換したりするために用いられ
る。
【０２４５】
　前記位相差フィルムとしては、面内の遅相軸方向の屈折率をｎx、面内の遅相軸と直交
する方向（進相軸方向）の屈折率をｎy、厚み方向の屈折率をｎzとした場合、以下のよう
に分類できることが知られている。すなわち、
ｎx＞ｎy≒ｎzのポジティブＡプレート、
ｎx≒ｎy＞ｎzのネガティブＣプレート、
ｎx≒ｎy＜ｎzのポジティブＣプレート、
ｎx≠ｎy≠ｎzのポジティブＯプレート及びネガティブＯプレート
が挙げられる。
【０２４６】
　前記位相差フィルムの位相差値は、用いられる表示装置により、３０～３００ｎｍの範
囲から適宜選択すればよい。
　前記位相差フィルムを広帯域λ／４板として用いる場合は、Ｒｅ（５４９）は１１３～
１６３ｎｍ、好ましくは１３０～１５０ｎｍに調整すればよい。広帯域λ／２板として用
いる場合は、Ｒｅ（５４９）は２５０～３００ｎｍ、好ましくは２６５～２８５ｎｍに調
整すればよい。位相差値が前記の値であると、広範の波長の光に対し、一様に偏光変換で
きる傾向があり、好ましい。ここで、広帯域λ／４板とは、各波長の光に対し、その１／
４の位相差値を発現する位相差フィルムであり、広帯域λ／２板とは、各波長の光に対し
、その１／２の位相差値を発現する位相差フィルムである。ここでいうＲｅについては後
述する。
【０２４７】
　なお、本組成物中の化合物（Ａ）及び液晶化合物（Ａ’）の含有量を適宜調整すること
により、所望の位相差を与えるように膜厚を調製することができる。得られる位相差フィ
ルムの位相差値（リタデーション値、Ｒｅ（λ））は、式（４）のように決定されること
から、所望のＲｅ（λ）を得るためには、Δｎ（λ）と膜厚ｄを適宜調整すればよい。
　Ｒｅ（λ）＝ｄ×Δｎ（λ）　　　（４）
（式中、Ｒｅ（λ）は、波長λｎｍにおける位相差値を表し、ｄは膜厚を表し、Δｎ（λ
）は波長λｎｍにおける複屈折率を表す。）
【０２４８】
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２－２．本光学フィルムの製造方法
　本光学フィルムは、適当な基材を準備し、該基材上に本組成物を塗布し、乾燥し、本組
成物に含まれる化合物（Ａ）を、又は化合物（Ａ）と液晶化合物（Ａ’）とを重合するこ
とにより製造することができる。以下、本光学フィルムの製造方法の一例を説明する。
【０２４９】
２－２－０．基材の準備
　本光学フィルムの製造に用いることができる基材としては例えば、ガラス、プラスチッ
クシート、プラスチックフィルム、透光性フィルムが好ましい。前記透光性フィルムとし
ては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ノルボルネン系ポリマー等のポリオレフ
ィンフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、
ポリメタクリル酸エステルフィルム、ポリアクリル酸エステルフィルム、セルロースエス
テルフィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリス
ルフォンフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリ
フェニレンスルフィドフィルム及びポリフェニレンオキシドフィルム等が挙げられる。
【０２５０】
　なお、かかる基材の本組成物を塗布する面には、配向膜が形成されていてもよい。
【０２５１】
２－２－１．未重合フィルムの作製
　基材の上に、本組成物を塗布することにより、該基材上に未重合フィルムが得られる。
未重合フィルムがネマチック相等の液晶相を示す場合、モノドメイン配向による複屈折性
を有する。
【０２５２】
　基材上への塗布方法としては、例えば、押し出しコーティング法、ダイレクトグラビア
コーティング法、リバースグラビアコーティング法、ＣＡＰ（キャップ）コーティング法
、ダイコーティング法、インクジェット法、ディップコーティング法、スリットコーティ
ング法、スピンコーティング法及びバーコーターによる塗布等が挙げられる。中でも、ロ
ールｔｏロール形式で連続的に基材上に本組成物を塗布できる点で、ＣＡＰコーティング
法、インクジェット法、ディップコーティング法、スリットコーティング法及びバーコー
ターによる塗布が好ましい。本組成物によれば、上記いずれの塗布方法によって未重合フ
ィルムを形成しても、該未重合フィルム中で、本組成物の構成成分（化合物（Ａ）等の重
合性液晶化合物等）が結晶化することを良好に防止できる。
【０２５３】
　本光学フィルムは、前記基材と積層した状態で使用してもよい。本光学フィルムに前記
基材を積層しておくことで、フィルムの運搬、保管等を行う際に、本光学フィルムが破損
することが抑制され、容易に取り扱うことができる。
【０２５４】
　上述のように、本光学フィルムを製造する際、基材をそのまま、或いは基材上に配向膜
を形成してから、本組成物を塗布することについて述べたが、前記基材上には予め配向膜
を形成させておいてから、該配向膜の上に本組成物を塗布することが好ましい。このよう
に配向膜を形成した基材を用いれば、本光学フィルムに対して延伸による屈折率制御を行
う必要がないため、複屈折の面内ばらつきが小さくなる。そのため、フラットパネル表示
装置（ＦＰＤ）の大型化にも対応可能な大きな本光学フィルムを製造できる。
【０２５５】
　配向膜を形成する方法としては、ラビングによって配向規制力が付与される配向性ポリ
マーを用いる方法（以下、場合により「ラビング法」という）、偏光を照射することによ
り配向規制力が付与される光配向性ポリマーを用いる方法（以下、場合により「光配向法
」という）、基板表面に酸化ケイ素を斜方蒸着する方法、及びラングミュア・ブロジェッ
ト法（ＬＢ法）を用いて長鎖アルキル基を有する単分子膜を形成する方法等が挙げられる
。中でも、本組成物に含まれる化合物（Ａ）の配向均一性、本光学フィルム製造の処理時
間及び処理コストの観点から、ラビング法及び光配向法が好ましく、光配向法がより好ま
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しい。配向膜としては、その上に本組成物を塗布しても、本組成物に含まれる成分、例え
ば、本組成物に含まれる溶剤に溶解しない程度の耐溶剤性を有することが好ましい。また
、該配向膜には、前記未乾燥フィルムからの溶剤の除去や、化合物（Ａ）や液晶化合物（
Ａ’）の液晶配向時の熱処理に対する耐熱性、下地である基材に対しての密着性を有する
ことも求められる。
【０２５６】
　配向膜がラビング法によって形成される場合、ラビング法に用いられる配向性ポリマー
としては、例えば分子内にアミド結合を有するポリアミドやゼラチン類、分子内にイミド
結合を有するポリイミド及びその加水分解物であるポリアミック酸、ポリビニルアルコー
ル、アルキル変性ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド、ポリオキサゾール、ポリ
エチレンイミン、ポリスチレン、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸又はポリアクリ
ル酸エステル類等のポリマーを挙げることができる。配向膜形成用材料として、サンエバ
ー（登録商標、日産化学工業株式会社製）又はオプトマー（登録商標、ＪＳＲ株式会社製
）等の市販品を用いてもよい。
【０２５７】
　配向膜が光配向法によって形成される場合、光配向法に用いられる光配向性ポリマーと
しては、感光性構造を有するポリマーが挙げられる。感光性構造を有するポリマーに偏光
を照射すると、照射された部分の感光性構造が異性化又は架橋することで光配向性ポリマ
ーが配向し、光配向性ポリマーからなる膜に配向規制力が付与される。上記感光性構造と
しては、例えば、アゾベンゼン構造、マレイミド構造、カルコン構造、桂皮酸構造、１，
２－ビニレン構造、１，２－アセチレン構造、スピロピラン構造、スピロベンゾピラン構
造及びフルギド構造等が挙げられる。これらのポリマーは、単独で用いてもよいし、２種
類以上併用してもよい。これらのポリマーは、感光性構造を有する単量体を用いて、脱水
や脱アミン等による重縮合や、ラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合等の連鎖重合
、配位重合や開環重合等により得ることができる。また、異なる感光性構造を有する単量
体を複数種用い、それらの共重合体であってもよい。このような光配向性ポリマーとして
は、特許第４４５０２６１号、特許第４０１１６５２号、特開２０１０－４９２３０号公
報、特許第４４０４０９０号、特開２００７－１５６４３９号公報、特開２００７－２３
２９３４号公報等に記載される光配向性ポリマーが挙げられる。
【０２５８】
　基材上に配向膜を形成するためには、上記配向性ポリマー及び光配向性ポリマーは、溶
剤に溶解した溶液（配向膜形成用組成物）とし、該配向膜形成用組成物を該基材上に塗布
する方法が簡便で好ましい。配向膜形成用組成物に用いる溶剤は、該溶剤に溶解させる配
向性ポリマー及び光配向性ポリマーの種類等により適宜選択できるが、具体的には、水、
メタノール、エタノール、エチレングリコール、イソプロピルアルコール、プロピレング
リコール、エチレングリコールメチルエーテル、エチレングリコールブチルエーテル又は
プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル
、エチレングリコールメチルエーテルアセテート、γ－ブチロラクトン、プロピレングリ
コールメチルエーテルアセテート又は乳酸エチル等のエステル溶剤；アセトン、メチルエ
チルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、２－ヘプタノン又はメチルイソブチ
ルケトン等のケトン溶剤；ペンタン、ヘキサン又はヘプタン等の脂肪族炭化水素溶剤；ト
ルエン又はキシレン等の芳香族炭化水素溶剤、アセトニトリル等のニトリル溶剤；テトラ
ヒドロフラン又はジメトキシエタン等のエーテル溶剤；クロロホルム又はクロロベンゼン
等の塩素系溶剤；等が挙げられる。これら有機溶剤は、単独で用いてもよいし、複数種を
組み合わせて用いてもよい。
【０２５９】
　配向膜形成用組成物から配向膜を形成するためには、上述のように、まず、前記基材上
に、該配向膜形成用組成物を塗布する。塗布方法としては、すでに説明した本組成物を基
材上に塗布する方法として例示したものと同じ方法が採用できる。この場合も、ロールｔ
ｏロール形式で連続的に基材上に本組成物を塗布できる方法が商業的生産の点では好まし
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い。
【０２６０】
　続いて、配向膜形成用組成物を基材上に塗布した塗布膜（配向膜形成用塗布膜）を乾燥
して、該配向膜形成用組成物に含まれる溶剤などの低沸点成分を該配向膜形成用塗布膜か
ら除去する。
【０２６１】
　乾燥方法としては、例えば自然乾燥、通風乾燥、加熱乾燥又は減圧乾燥等、或いはこれ
らを組み合わせた方法が挙げられる。具体的な乾燥温度としては、１０～２５０℃である
ことが好ましく、２５～２００℃であることがさらに好ましい。また乾燥時間としては、
用いた配向膜形成用組成物に含まれる溶剤の種類にもよるが、５秒間～６０分間であるこ
とが好ましく、１０秒間～３０分間であることがより好ましい。乾燥温度及び乾燥時間が
上記範囲内であれば、前記の基材のいずれかを用いた場合、該基材に対する損傷を抑制す
ることができる。
【０２６２】
　かくして基材上に形成された配向膜形成用塗布膜に、すでに説明した方法により配向規
制力を付与して配向膜を形成する。ここでは、配向規制力を付与する好ましい方法として
例示したラビング法及び光配向法について詳述する。
【０２６３】
　前記配向膜形成用塗布膜に対して、ラビング法により配向規制力を付与する方法として
は、例えばラビング布が巻きつけられ、回転しているラビングロールを準備し、基材上に
配向膜形成用塗布膜が形成された積層体をステージに載せて、回転しているラビングロー
ルに向けて搬送することで、該配向膜形成用塗布膜と、回転しているラビングロールとを
接触させる方法が挙げられる。
【０２６４】
　ラビング法により、互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域に分かれるよ
うに、前記配向膜形成用塗布膜に配向規制力を付与するためには、例えば、以下のように
すればよい。なお、このようにｍ互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域を
有する配向膜を「パターン化配向膜」という。
　まず、配向膜形成用塗布膜の表面に、マスクを介さず、第１のラビング処理を施す。こ
の第１のラビング処理によって、上記表面全域の配向規制力の方向を第１のラビング処理
方向に対応させる。次いで、上記第１のラビング処理後の配向膜形成用塗布膜上に、マス
ク（第１のマスク）を積層し、上記第１のラビング処理方向とは異なる第２のラビング処
理方向に沿って第２のラビング処理を施す。この第２のラビング処理によって、第２のパ
ターン領域の配向規制力の方向を変化させて上記第２のラビング処理方向に対応させる。
この第２のラビング処理が行われても、上記配向膜形成用塗布膜の表面のうち、第１のマ
スクに覆われた領域は、ラビングを受けないので、上記第１のラビング処理による配向規
制力が維持される。これにより、互いに配向規制力の方向が異なる複数のパターン領域を
有するパターン化配向膜が得られる。
【０２６５】
　なお、上記乾燥後の配向性ポリマー膜上に、第１のパターン領域に対応した空隙部を有
する第１のマスク（残りの領域は実部になっている）を積層して第１のラビング処理を行
い、次いで、第２のパターン領域に対応した空隙部を有する第２のマスク（残りの領域は
実部になっている）を積層して、第２のラビング処理を行うことによっても、パターン化
配向膜を形成することができる。さらに、３種類以上のマスクを介してラビング処理を繰
り返し行うことにより、互いに配向規制力の方向が異なる３つ以上のパターン領域を有す
るパターン化配向膜を作成することもできる。
【０２６６】
　パターン化配向膜を製造するためのマスクは、例えば、ストライプ状の実部とストライ
プ状の空隙部とを、互いに同じ幅で、交互に並べて配置したパターンを有している。実部
と空隙部の幅は、表示素子基板の複数の画素の行方向又は列方向の配列のピッチと等しく
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設定されている。マスクを構成する材料としては、ＳＵＳ（ステンレス鋼）、鉄、アルミ
ニウム板等の金属、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフ
タレート）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＣ（ポリカーボネート
）等のプラスチック等が挙げられ、ラビング処理により、破砕しない材料であればよい。
また、マスクの膜厚は、２０μｍ～５ｍｍが好ましく、３０μｍ～１ｍｍがより好ましい
。
【０２６７】
　次に、配向膜形成用塗布膜に対し、光配向法により配向規制力を付与する光配向法につ
いて説明する。
　光配向法により配向規制力を付与するには、配向膜形成用塗布膜上に、偏光照射（例え
ば、直線偏光紫外線）を行う。偏光照射は、例えば、特開２００６－３２３０６０号公報
に記載される装置を用いて行うことができる。例えば、配向膜形成用塗布膜上で、例えば
所望の複数領域に対応したフォトマスクを準備し、当該領域毎にフォトマスクを介しての
偏光照射（例えば、直線偏光紫外線）を繰り返し行うことにより、パターン化配向膜を形
成することができる。上記フォトマスクとしては、例えば、石英ガラス、ソーダライムガ
ラスまたはポリエステルなどのフィルム上に、遮光パターンを設けたものが挙げられる。
遮光パターンで覆われている部分は露光される光が遮断され、覆われていない部分は露光
される光が透過される。熱膨張の影響が小さいため、フォトマスクに用いられる基材とし
ては石英ガラスが好ましい。
【０２６８】
　光配向法によってもパターン化配向膜を形成することができる。ここではその一例を挙
げる。まず、配向膜形成用塗布膜（光配向性ポリマーを含む）に、第１のパターン領域に
対応した空隙部を有する第１のフォトマスク（残りの領域は遮光パターンになっている）
を介して、第１の偏光方向を有する第１の偏光を照射する（第１の偏光照射）。この第１
の偏光照射によって、上記第１のパターン領域の配向規制力の方向を上記第１の偏光方向
に対応させる。次いで、第２のパターン領域に対応した空隙部を有する第２のフォトマス
ク（残りの領域は遮光パターンになっている）を介して、上記第１の偏光方向とは異なる
第２の偏光方向（例えば、第１の偏光方向に対して垂直な方向）を有する第２の偏光を照
射する（第２の偏光照射）。この第２の偏光照射によって、上記第２のパターン領域１２
の配向規制力の方向を上記第２の偏光方向に対応させる。これにより、互いに配向規制力
の方向が異なる複数のパターン領域を有する配向膜が得られる。さらに、３種類以上のフ
ォトマスクを介して偏光照射を繰り返し行うことにより、互いに配向規制力の方向が異な
る３つ以上のパターン領域を有するパターン化配向膜を作成することもできる。光配向性
ポリマーの反応性の点で、各偏光照射とも、照射する光は紫外線であることが好ましい。
【０２６９】
　かくして基材上に形成される配向膜又はパターン化配向膜の膜厚は、例えば１０ｎｍ～
１００００ｎｍであり、好ましくは１０ｎｍ～１０００ｎｍである。このような範囲とす
れば、本組成物に含まれる液晶性成分（化合物（Ａ）、液晶化合物（Ａ’））を所望の角
度に配向させることができる。
【０２７０】
２－２－２．未重合フィルムの重合
　基材上又は配向膜上に形成された前記未重合フィルムに含まれる化合物（Ａ）を、又は
、未重合フィルムに含まれる化合物（Ａ）と液晶化合物（Ａ’）とを重合し、硬化させる
ことにより、光学フィルムが得られる。光学フィルムは、化合物（Ａ）の配向性が固定化
されており、熱による複屈折の変化の影響を受けにくい。
【０２７１】
　化合物（Ａ）を、又は、化合物（Ａ）と液晶化合物（Ａ’）とを重合させる方法として
は、光重合法が好ましい。光重合法によれば、低温で重合を実施できるため、用いる基材
の耐熱性の選択幅が広がる。光重合反応は、未重合フィルムに、可視光、紫外光またはレ
ーザー光を照射することにより行われる。取り扱いの点で、紫外光が特に好ましい。
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【０２７２】
　基材上又は配向膜上に、本組成物を塗布した形成された未重合フィルムに対し、そのま
ま光照射を行って、該未重合フィルムを硬化することもできるが、該未重合フィルムを乾
燥して、該未重合フィルムから溶剤を除去しておくことが好ましい。このようにして、未
重合フィルムを乾燥した場合であっても、該未重合フィルム中で、本組成物の構成成分（
化合物（Ａ）等の重合性液晶化合物等）が結晶化することを良好に防止できる。
　なお、溶剤の除去は、重合反応と並行して行ってもよいが、重合を行う前に、ほとんど
の溶剤を除去しておくことが好ましい。その除去方法としては、配向膜の形成方法におい
て乾燥方法として例示したものと同じ方法が採用される。中でも、自然乾燥又は加熱乾燥
が好ましく、自然乾燥又は加熱乾燥を行う際の温度は、０℃～２５０℃の範囲が好ましく
、５０℃～２２０℃の範囲がより好ましく、８０℃～１７０℃の範囲がさらに好ましい。
加熱時間は、１０秒間～６０分間が好ましく、より好ましくは３０秒間～３０分間である
。加熱温度および加熱時間が上記範囲内であれば、基材として、耐熱性が必ずしも十分で
はないものを用いることができる。
【０２７３】
　化合物（Ａ）等を重合させて、未重合フィルムを硬化させた後、基材を剥離することに
より、配向膜と本光学フィルムとが積層されたフィルム（積層フィルム）が得られる。さ
らに、配向膜を剥離して、単層の本光学フィルムを得ることができる。また、他の基材（
フィルム又は板）を、該積層フィルムに貼合しておいてから、本光学フィルムに積層され
ていた基材や配向膜を剥離することにより、転写を行うこともできる。
【０２７４】
３．偏光板
　本光学フィルムは、例えば偏光板製造に用いることができる。当該偏光板は、上述した
本光学フィルム（本光学フィルムが位相差フィルムである場合を含む）を少なくとも一つ
有するものである。
　この偏光板としては、図１（ａ）～図１（ｅ）に示すように、（１）本光学フィルム１
と、偏光フィルム層２とが、直接積層された偏光板４ａ（図１（ａ））；（２）本光学フ
ィルム１と偏光フィルム層２とが、接着剤層３を介して貼り合わされた偏光板４ｂ（図１
（ｂ））；（３）本光学フィルム１と、本光学フィルム１’とを積層させ、さらに、本発
明の本光学フィルム１’と偏光フィルム層２とを積層させた偏光板４ｃ（図１（ｃ））；
（４）本光学フィルム１と、本光学フィルム１’とを接着剤層３を介して貼り合わせ、さ
らに、本光学フィルム１’上に偏光フィルム層２を積層させた偏光板４ｄ（図１（ｄ））
；及び、（５）本光学フィルム１と、本光学フィルム１’とを接着剤層３を介して貼り合
わせ、さらに、本光学フィルム１’と偏光フィルム層２とを接着剤層３’を介して貼り合
せた偏光板４ｅ（図１（ｅ））等が挙げられる。ここで接着剤とは、接着剤及び／又は粘
着剤のことを総称するものである。なお、図１の説明では、光学フィルムとしては、本光
学フィルムのみであってもよいし、本光学フィルムに配向膜が積層しているものであって
もよいし、本光学フィルムに配向膜及び基材が積層しているものであってもよい。
【０２７５】
　前記偏光フィルム層２は、偏光機能を有するフィルムであればよく、例えば、ポリビニ
ルアルコール系フィルムにヨウ素や二色性色素を吸着させて延伸したフィルム、ポリビニ
ルアルコール系フィルムを延伸して沃素や二色性色素を吸着させたフィルム等が挙げられ
る。
【０２７６】
　また、偏光フィルム層２は、必要に応じて、保護フィルムとなるフィルムを備えていて
もよい。前記保護フィルムとしては、たとえばポリエチレン、ポリプロピレン、ノルボル
ネン系ポリマー等のポリオレフィンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポ
リメタクリル酸エステルフィルム、ポリアクリル酸エステルフィルム、セルロースエステ
ルフィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスル
フォンフィルム、ポリエーテルスルホンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリフ
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【０２７７】
　接着剤層３及び接着剤層３’に用いられる接着剤は、透明性が高く耐熱性に優れた接着
剤であることが好ましい。そのような接着剤としては、例えば、アクリル系接着剤、エポ
キシ系接着剤あるいはウレタン系接着剤等が用いられる。
　また、偏光板においては、図１（ｃ）～図１（ｅ）に示すように、２以上の本発明の光
学フィルムを直接または接着剤層を介して貼り合わせてもよい。
【０２７８】
４．フラットパネル表示装置
　本発明のフラットパネル表示装置は、本光学フィルム（本光学フィルムが位相差フィル
ムである場合を含む）は、フラットパネル表示装置に係る部材として極めて有用である。
例えば、本光学フィルムと、液晶パネルとが貼り合わされた液晶パネルを備える液晶表示
装置や、本発明の光学フィルムと、発光層とが貼り合わされた有機エレクトロルミネッセ
ンス（以下、「ＥＬ」ともいう）パネルを備える有機ＥＬ表示装置を挙げることができる
。本発明のフラットパネル表示装置の実施形態として、液晶表示装置と、有機ＥＬ表示装
置とについて、簡単に説明する。
【０２７９】
４－１．液晶表示装置
　液晶表示装置としては、例えば、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すような液晶表示装置
等が挙げられる。図２（ａ）に示す液晶表示装置１０ａは、本発明の偏光板４と液晶パネ
ル６とを、接着層５を介して貼り合わせてなるものであり、図２（ｂ）に示す液晶表示装
置１０ｂは、本発明の偏光板４と本発明の偏光板４’とを液晶パネル６の両面に接着層５
及び接着層５’を介して貼り合わせたものである。上記構成によれば、図示しない電極を
用いて、液晶パネルに電圧を印加することにより、液晶分子の配向が変化し、白黒表示が
できる。
【０２８０】
４－２．有機ＥＬ表示装置
　有機ＥＬ表示装置としては、図３に示す有機ＥＬ表示装置等が挙げられる。上記有機Ｅ
Ｌ表示装置としては、本発明の偏光板４と、有機ＥＬパネル７とを、接着層５を介して貼
り合わせてなる有機ＥＬ表示装置１１が挙げられる。上記有機ＥＬパネル７は、導電性有
機化合物からなる少なくとも１層の層である。上記構成によれば、図示しない電極を用い
て、有機ＥＬパネルに電圧を印加することにより、有機ＥＬパネルが有する発光層に含ま
れる化合物が発光し、白黒表示ができる。
　なお、上記有機ＥＬ表示装置１１において、偏光板４は、広帯域円偏光板として機能す
るものであることが好ましい。広帯域円偏光板として機能するものであると、有機ＥＬ表
示装置１１の表面において外光の反射を防止することができる。
【実施例】
【０２８１】
　以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は、下記実施例によっ
て限定されるものではなく、前・後記の趣旨に適合しうる範囲で適宜変更して実施するこ
とも可能であり、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。なお、例中の「％
」及び「部」は、特記ない限り、質量％及び質量部である。
【０２８２】
１．合成例
　化合物（Ａ１１－１）は下記のスキームに従って合成した。
【０２８３】
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【０２８４】
１－１．「４，６－ジメチルベンゾフラン－２－カルボン酸の合成」
　４，６－ジメチルサリチルアルデヒド１４６．６ｇ、炭酸カリウム３３０．７ｇをＮ，
Ｎ’―ジメチルアセトアミド７００ｍＬ中に分散させた。得られた分散液を８０℃に加温
した後、ブロモ酢酸ｔｅｒｔ－ブチル１９０．５ｇを３０分かけて滴下した。滴下後の混
合液を１３０℃で２時間反応させた。反応液を室温まで冷却後、メチルイソブチルケトン
６００ｍＬを加えて、純水１２００ｍＬを用いて水洗した。さらに有機層を２回１０００
ｍＬの純水で水洗し、有機層を回収した。無水硫酸ナトリウムで脱水後、エバポレータに
て溶媒を留去した。残渣を酢酸２４０ｇに溶解させて、臭化水素酸水溶液７２ｇを加えて
、４０℃で１時間攪拌した。室温まで放冷後、１Ｎ（１ｍｏｌ／Ｌ）－塩酸１５０ｇを加
えて析出した白色粉末を濾取した。得られた白色粉末をさらに、１Ｎ－塩酸で洗浄した後
、真空乾燥させることにより、４，６－ジメチルベンゾフラン－２－カルボン酸を８１．
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７ｇ黄色粉末として得た。収率は４，６－ジメチルサリチルアルデヒド基準で４４％であ
った。
【０２８５】
１－２．「化合物（１１－ａ）の合成」
　４，６－ジメチルベンゾフラン－２－カルボン酸８０ｇ、２，５－ジメトキシアニリン
９６．６ｇ及びクロロホルム４００ｇを混合した。得られた懸濁液を氷浴にて冷却した後
、１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド塩酸塩８８．７ｇと
クロロホルム３００ｇとの混合液を４時間かけて加えて、室温で４８時間反応させた。得
られた混合液を濃縮し、１Ｎ－塩酸、水－メタノールの混合溶液（水２体積部、メタノー
ル１体積部）を加えて晶析させた。得られた沈殿物を濾取し、水－メタノールの混合溶液
（水２体積部、メタノール１体積部）を加えた。析出した淡黄色沈殿を濾取し、水－メタ
ノールの混合溶液（水２体積部、メタノール１体積部）で洗浄、真空乾燥して、淡黄色粉
末として化合物（１１－ａ）を１２４．２ｇ得た。収率は４，６－ジメチルベンゾフラン
－２－カルボン酸基準で９１％であった。
【０２８６】
１－３．「化合物（１１－ｂ）の合成」
　化合物（１１－ａ）１２３ｇ、２，４－ビス（４－メトキシフェニル）－１，３－ジチ
ア－２，４－ジホスフェタン－２，４－ジスルフィド（ローソン試薬）９．２ｇ及びトル
エン１２００ｇを混合した。得られた混合液を１１０℃まで昇温した後、同温度で８時間
反応させた。室温まで冷却後、１Ｎ－水酸化ナトリウム水溶液を用いて洗浄した。有機層
を回収し、ｎ－ヘプタン８００ｍＬを加えた。析出した黄色沈殿物を濾取、ｎ－ヘプタン
で洗浄、真空乾燥させることにより鮮黄色粉末として化合物（１１－ｂ）を１０９．２ｇ
得た。収率は化合物（１１－ａ）基準で８５％であった。
【０２８７】
１－４．「化合物（１１－ｃ）の合成」
　化合物（１１－ｂ）６０ｇ、水酸化カリウム５３．８ｇ及び水１０００ｇを混合した。
得られた混合液を氷冷下で攪拌した。続いてフェリシアン化カリウム１３３ｇ、メタノー
ル５１ｇを加え、反応させた。さらに、室温で３６時間反応させて、析出した黄色沈殿物
を濾取した。濾取した沈殿をｎ－ヘプタン－トルエンの混合溶媒（ｎ－ヘプタン３体積部
、トルエン１体積部）で洗浄し、得られた黄色粉末を真空乾燥して、黄色固体として化合
物（１１－ｃ）を５１．３ｇ得た。収率は化合物（１１－ｂ）基準で８６％であった。
【０２８８】
１－５．「化合物（１１－ｄ）の合成」
　化合物（１１－ｃ）４０ｇ及び塩化ピリジニウム４００ｇ（１０倍質量）を混合し、得
られた混合物を１８０℃に昇温し、同温度で３時間反応させた。得られた混合液を氷に加
え、析出した沈殿物を濾取した。水により懸濁水洗を行った後、トルエンで洗浄、真空乾
燥させて、化合物（１１－ｄ）を主成分とする黄色固体３６．６ｇを得た。収率は化合物
（１１－ｃ）基準で９９％であった。
【０２８９】
１－６．「化合物（Ｒ－１ａ）の合成」
　化合物（Ｒ－１ａ）は、特開２０１０－３１２２３号公報の段落０２４４を参考に合成
した。
【０２９０】
１－７．「化合物（Ａ１１－１）の合成」
　化合物（１１－ｄ）３５ｇ、化合物（Ｒ－１ａ）９８．８ｇ、ジメチルアミノピリジン
１．３７ｇ及びトルエン７００ｍＬを混合した。得られた混合液にＮ、Ｎ’－ジシクロヘ
キシルカルボジイミド５５．６ｇを氷冷下で加えた。得られた反応溶液を室温で終夜反応
させ、シリカゲルをプレコートした濾材を用いて、濾過したのち、減圧濃縮した。残渣に
メタノールを加えて結晶化させた。結晶を濾取し、クロロホルムに再溶解させ２．３ｇの
活性炭を加えて、室温で一時間攪拌した。溶液を濾過して濾液をエバポレータにて体積が



(90) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

20

30

40

１／３になるまで減圧濃縮後、攪拌しながらメタノールを加えて、析出した白色沈殿物を
濾取し、ヘプタンで洗浄、真空乾燥して化合物（Ａ１１－１）を白色粉末として７４．５
ｇ得た。収率は化合物（１１－ｄ）基準で６０％であった。
【０２９１】
１－８．「化合物（ｉｘ－１）の合成」
　化合物（ｉｘ－１）は、特開２０１０－３１２２３号公報記載の方法で合成した。
【０２９２】
２．組成物の調製
　表２に示す各成分を混合し、得られた溶液を８０℃で１時間攪拌した後、室温まで冷却
して組成物を調製した。
【０２９３】
【表２】

　表２中、光重合開始剤は、Ｉｒｇ３６９（イルガキュア３６９（ＢＡＳＦジャパン社製
））、レベリング剤には、ＢＹＫ３６１Ｎ（ビックケミージャパン製）、溶剤はシクロペ
ンタノンを用いた。
【０２９４】
３．組成物の熱挙動観察
（実施例１及び２、比較例１及び２）
　ガラス基板にポリビニルアルコール(ポリビニルアルコール１０００完全ケン化型、和
光純薬工業株式会社製)の２重量％水溶液を塗布し、加熱乾燥後、厚さ８９ｎｍ膜を得た
。続いて、表面にラビング処理を施し、ラビング処理を施した面に、表２の組成物１～４
の塗布液（混合溶液）をスピンコート法により塗布した。塗布した基板を、ホットステー
ジ付き偏光顕微鏡（ホットステージ：ＬＴＳ３５０、Ｌｉｎｋａｍ社製、偏光顕微鏡：Ｂ
Ｘ－５１、オリンパス社製）を用いて、昇温時は昇温速度３０℃／ｍｉｎで加熱しながら
組成物の挙動を観察した。結果を表３に示す。
【０２９５】
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【表３】

【０２９６】
４－１．光学フィルムの製造例
（実施例３～４、比較例３～４）
　ガラス基板にポリビニルアルコール(ポリビニルアルコール１０００完全ケン化型、和
光純薬工業株式会社製)の２重量％水溶液を塗布し、加熱乾燥後、厚さ８９ｎｍ膜を得た
。続いて、表面にラビング処理を施し、ラビング処理を施した面に、表２の組成物１～４
の塗布液（混合溶液）をスピンコート法により塗布し、表４記載の温度（Ｔｃ）で１分間
乾燥した。表４に記載の温度（Ｔｄ）で１分間放置後、積算光量２４００ｍＪ／ｃｍ２の
紫外線を照射してフィルムを作成した。
【０２９７】
４－２．表面観察
　フィルムの表面状態を偏光顕微鏡で４００倍の倍率で観察した。モノドメインを呈して
いれば○、欠陥が発生していれば、×とする。結果を表４に示す。
【０２９８】

【表４】

【０２９９】
５．光学特性の測定
　実施例３及び４で作成したフィルムの位相差値を測定機（ＫＯＢＲＡ－ＷＲ、王子計測
機器社製）により測定した。位相差値（ｎｍ）の測定は、ガラス基板、配向膜及びフィル
ムを含む積層体について行ったが、ガラス基板及び配向膜は複屈折性を有さない（配向膜
及びガラス基板については、Ｒｅ（４４７）＝Ｒｅ（５４７）＝Ｒｅ（６２８）＝０）の
で、測定された位相差値をフィルムの位相差値とすることができる。位相差値Ｒｅ（λ）
は、波長（λ）４５１ｎｍ、５４９ｎｍ及び６２８ｎｍにおいて測定した。結果を表５に
示す。
【０３００】
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【表５】

【０３０１】
　本組成物（組成物１及び組成物２）を用いた実施例の光学フィルムは、結晶化が十分抑
制されていることから良好な成膜性を有するものであり、且つ、成膜が可能であるモノド
メインを形成する温度が低い傾向もみられた。
【産業上の利用可能性】
【０３０２】
　本発明は、液晶表示装置及び有機ＥＬ表示装置等に用いられる光学フィルムの製造に極
めて有用であり、産業上の価値が高いものである。
【符号の説明】
【０３０３】
１、１’、１２：本発明の光学フィルム、
２、２’：偏光フィルム層、
３、３’：接着剤層、
４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ、４ｅ、４、４’：本発明の偏光板、
５、５’：接着層、
６：液晶パネル、
７：有機ＥＬパネル、
１０ａ、１０ｂ：液晶表示装置、
１１：有機ＥＬ表示装置



(93) JP 2013-71956 A 2013.4.22

【図１】

【図２】

【図３】



(94) JP 2013-71956 A 2013.4.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０８Ｆ   2/50     (2006.01)           Ｃ０８Ｆ   2/50    　　　　          　　　　　

Ｆターム(参考) 2H191 FA22X FA22Z FA30X FA30Z FB05  FC33  LA13 
　　　　 　　  4J011 NA25  NB04  QA07  QA18  QA33  QA39  QA40  SA01  SA21  SA31 
　　　　 　　        SA65  UA01  VA01  WA10 
　　　　 　　  4J100 AL08P AL66P BA02P BA15P BA40P BA41P BA58P BB01P BB03P BB07P
　　　　 　　        BB18P BC04P BC43P BC53P BC69P BC83P CA01  CA04  DA66  FA04 
　　　　 　　        JA39 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

